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(57)【要約】
【課題】重合性非晶質母材を前記母材に配置された発光
材料など、電気活性材料でパターン化するための材料お
よび方法、並びに前記材料および方法を用いて形成され
た素子を提供する。
【解決手段】有機エレクトロルミネセンス素子の製造方
法において、転写層がドナー基材上に溶液塗布される。
前記転写層が、発光材料が内部に配置された重合性非晶
質母材を含む。次に、前記転写層が、受容体上に選択的
にパターン化される。次に、重合性非晶質母材が重合さ
れる。パターン化方法の例には、レーザ熱転写またはサ
ーマルヘッド転写などがある。方法および関連材料を用
いて、例えば、有機エレクトロルミネセンス素子を形成
することができる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　有機エレクトロルミネセンス素子の製造方法であって、
　発光材料が内部に配置された重合性非晶質母材を含む転写層をドナー基材上に溶液塗布
する工程と、
　前記転写層の一部分を受容体に選択的に熱転写する工程と、
　前記受容体に転写された前記転写層の前記一部分の前記重合性非晶質母材を重合させる
工程と、を含む方法。
【請求項２】
　光－熱変換層を前記ドナー基材上に形成する工程を更に含み、前記転写層を前記受容体
に選択的に熱転写する工程が、前記光－熱変換層を画像形成輻射線で選択的に照射し、前
記画像形成輻射線を熱に変換する工程を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　少なくとも１つの付加的な転写層を前記基材上に形成する工程を更に含み、前記転写層
を前記受容体に選択的に熱転写する工程が、前記転写層および前記少なくとも１つの付加
的な転写層を前記受容体に選択的に熱転写する工程を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記発光材料が発光ポリマーを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記発光材料が燐光材料を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記重合性非晶質母材が、非晶質母材形成ベース構造および前記ベース構造に結合した
少なくとも２つの重合性部分を有する少なくとも１つの重合性非晶質母材形成化合物を含
む、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記重合性部分が独立して、ビニル、ペルフルオロビニルエーテル、アジド、ペンタジ
エニル、アルキニル、（メタ）アクリレート、フェニルアルキニル、イソシアナト、およ
びベンゾシクロブタン部分から選択される、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記ベース構造がデンドリマーを含む、請求項６に記載の方法。
【請求項９】
　前記ベース構造が、
【化１】

から選択され、上式中、各Ｒが独立して、アルケニル、アルケニレン、アリール、アリー
レン、ヘテロアリール、およびヘテロアリーレンから選択された少なくとも１つの官能基
を含む置換基である、請求項６に記載の方法。
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【請求項１０】
　前記重合工程が、前記受容体に転写された前記転写層の前記一部分の前記重合性非晶質
母材を熱重合させる工程を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記転写層が架橋剤を更に含み、前記重合工程が、前記受容体に転写された前記転写層
の前記一部分の、前記重合性非晶質母材および前記架橋剤を重合させる工程を含む、請求
項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記発光材料が重合性発光化合物を含み、前記重合工程が、前記受容体に転写された前
記転写層の前記一部分の、前記重合性非晶質母材および前記重合性発光化合物を重合させ
る工程を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　ドナーシートであって、
　基材と、
　前記基材上に配置され、重合性非晶質母材および前記母材に配置された発光材料を含む
転写層と、を含み、前記転写層が、前記ドナーシートから隣接して配置された受容体に選
択的に熱転写され得るドナーシート。
【請求項１４】
　前記基材と前記転写層との間に配置された光－熱変換層を更に含む、請求項１３に記載
のドナーシート。
【請求項１５】
　前記発光材料が発光ポリマーを含む、請求項１３に記載のドナーシート。
【請求項１６】
　前記発光材料が燐光材料を含む、請求項１３に記載のドナーシート。
【請求項１７】
　前記重合性非晶質母材が、非晶質母材形成ベース構造および前記ベース構造に結合した
少なくとも２つの重合性部分を有する少なくとも１つの重合性非晶質母材形成化合物を含
む、請求項１３に記載の方法。
【請求項１８】
　前記重合性部分が独立して、ビニル、ペルフルオロビニルエーテル、アジド、ペンタジ
エニル、アルキニル、（メタ）アクリレート、フェニルアルキニル、イソシアナト、およ
びベンゾシクロブタン部分から選択される、請求項１７に記載のドナーシート。
【請求項１９】
　前記ベース構造がデンドリマーを含む、請求項１７に記載のドナーシート。
【請求項２０】
　前記ベース構造が、
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【化２】

から選択され、上式中、各Ｒが独立して、アルケニル、アルケニレン、アリール、アリー
レン、ヘテロアリール、およびヘテロアリーレンから選択された少なくとも１個の官能基
を含む置換基である、請求項１７に記載のドナーシート。
【請求項２１】
　第１の電極と、
　第２の電極と、
　前記第１および第２の電極の間に配置され、発光材料が内部に配置された重合有機母材
を含む発光層と、を含む、エレクトロルミネセンス素子。
【請求項２２】
　前記発光材料が、前記母材中で重合された発光化合物を含む、請求項２１に記載のエレ
クトロルミネセンス素子。
【請求項２３】
　前記発光材料が発光ポリマーを含む、請求項２１に記載のエレクトロルミネセンス素子
。
【請求項２４】
　前記発光材料が燐光材料を含む、請求項２１に記載のエレクトロルミネセンス素子。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　材料をドナーシートから受像基板にパターンの通り熱転写することが、多種多様な用途
のために提案されている。例えば、材料を選択的に熱転写して、電子表示および他の素子
に有用な要素を形成することができる。具体的には、カラーフィルター、黒色母材、スペ
ーサ、偏光子、導電層、トランジスタ、燐光材料、および有機エレクトロルミネセンス材
料の選択的な熱転写が、すべて提案されている。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００２】
　本発明は、重合性非晶質母材を前記母材に配置された発光材料など、電気活性材料でパ
ターン化するための材料および方法、並びに前記材料および方法を用いて形成された素子
に関する。本発明の１つの実施態様は、有機エレクトロルミネセンス素子の製造方法を含
める。転写層が、ドナー基材上に配置される（例えば、溶液塗布される）。転写層は、発
光材料が内部に配置された重合性非晶質母材を含む。転写層の一部分が、受容体に選択的
に熱転写される。次に、受容体に転写された転写層の一部分の重合性非晶質母材が重合さ
れる。任意に、発光材料または発光材料の成分もまた重合性であり、重合性非晶質母材と
重合する。
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【０００３】
　別の実施態様は、基材および転写層を備えるドナーシートである。転写層は、重合性非
晶質母材および前記母材に配置された発光材料を含む。転写層を、ドナーシートから、隣
接して配置された受容体に選択的に熱転写することができる。ドナーシートはまた、光－
熱変換層、中間層、下層、または１つ以上の付加的な転写層などの他の層を含むことがで
きる。
【０００４】
　更に別の実施態様は、第１の電極、第２の電極、および前記第１および第２の電極の間
に配置された発光層を有するエレクトロルミネセンス素子である。発光層は、発光材料が
内部に配置された、重合有機母材を含む。
【０００５】
　本発明は、添付した図面と併せて本発明の様々な実施態様の以下の詳細な説明によって
、より完全に理解することができる。
【０００６】
　本発明は様々な変更および代替形態が可能であるが、それらの特定のものが図面の例に
よって示され、詳細に記載される。しかしながら、本発明は、記載された特定の実施態様
に限定されないことは、理解されるはずである。反対に、本発明は、本発明の精神および
範囲内にあるすべての改良、同等物および代替物に及ぶものとする。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】有機エレクトロルミネセンス表示構造体の略側面図である。
【図２】本発明による、材料を転写するためのドナーシートの略側面図である。
【図３】本発明による有機エレクトロルミネセンス表示の略側面図である。
【図４Ａ】有機エレクトロルミネセンス素子の第１の実施態様の略側面図である。
【図４Ｂ】有機エレクトロルミネセンス素子の第２の実施態様の略側面図である。
【図４Ｃ】有機エレクトロルミネセンス素子の第３の実施態様の略側面図である。
【図４Ｄ】有機エレクトロルミネセンス素子の第４の実施態様の略側面図である。
【図４Ｅ】有機エレクトロルミネセンス素子の第５の実施態様の略側面図である。
【図４Ｆ】有機エレクトロルミネセンス素子の第６の実施態様の略側面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　本発明は、重合性非晶質母材を前記母材に配置された電気活性材料で熱パターン化する
ための材料および方法を考察する。かかる方法および材料を用いて、電気活性有機材料、
特に、発光ポリマーまたは他の発光分子を含む有機電子素子および表示などの素子を形成
することができる。製造できる有機電子素子の例には、有機トランジスタ、太陽電池、有
機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）などの有機エレクトロルミネセンス（ＯＥＬ）素子などが
ある。更に、これらの材料および方法はまた、非感熱印刷、パターン化の他、例えば、イ
ンクジェット印刷、スクリーン印刷、およびフォトリソグラフィパターン化などの転写方
法に有用な場合がある。
【０００９】
　用語「活性」または「電気活性」は、有機電子素子中の層または材料を指すために用い
られるとき、素子の動作中に機能する、例えば、電荷キャリア（例えば、電子または正孔
）を伝導するかまたは半伝導し、光を生じ、素子構造体の電子的性質を増強するかまたは
調整する層または材料を示す。用語「非活性」は、上に記載したような機能に直接に寄与
しないが、有機電子素子の組立または製造または機能性にいくらか間接的に寄与すること
がある材料または層を指す。
【００１０】
　有機エレクトロルミネセンス（ＯＥＬ）表示または素子は、有機発光材料を備えるエレ
クトロルミネセンス表示または素子を指し、その発光材料には、小分子（ＳＭ）発光体（
例えば、非ポリマー発光体）、ＳＭドープトポリマー、発光ポリマー（ＬＥＰ）、ドープ
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トＬＥＰ、混合ＬＥＰ、または別の有機発光材料などがあり、単独で提供されるか、また
はＯＥＬ表示または素子内で機能性または非機能性である何れかの他の有機または無機材
料と共に適用される。
【００１１】
　Ｒ．Ｈ．フレンドら著（「共役ポリマーのエレクトロルミネセンス（“Ｅｌｅｃｔｒｏ
ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ ｉｎ Ｃｏｎｊｕｇａｔｅｄ Ｐｏｌｙｍｅｒｓ”）」Ｎａｔ
ｕｒｅ、３９７、１９９９年、１２１）には、一方の電極から電子を、他方の電極から正
孔を注入すること、反対電荷をもつキャリアの捕捉（いわゆる再結合）、およびこの再結
合プロセスによって生み出された励起電子－正孔状態（励起子）の放射減衰を含めて、エ
レクトロルミネセンスの機構の１つが記載されている。
【００１２】
　ＯＥＬ素子の材料は小分子（ＳＭ）、または事実上、ポリマーであってもよい。ＳＭ材
料には、電荷輸送性、電荷ブロッキング性、半導電性、およびエレクトロルミネセンス有
機および有機金属化合物などがある。概して、ＳＭ材料は、真空蒸着または蒸発させられ
て素子中に薄い層を形成することができる。実施において、所与の材料が一般に所望の電
荷輸送およびエレクトロルミネセンスの性質の両方を有するわけではないので、典型的に
は、ＳＭの多層が効率的なＯＥＬを製造するために用いられる。
【００１３】
　ＬＥＰ材料は典型的には、溶液処理のために好ましくは十分なフィルム形成性質を有す
る共役ポリマーまたはオリゴマー分子である。通常、ＬＥＰ材料を利用するには、ＬＥＰ
材料の溶剤溶液を基板上に流延し、溶剤を蒸発させ、それによってポリマーフィルムを残
す。ＬＥＰフィルムを形成する他の方法には、インクジェット噴射および押出塗布などが
ある。あるいは、ＬＥＰを、前駆種の反応によって基板上にｉｎ ｓｉｔｕ形成すること
ができる。効率的なＬＥＰランプは、１、２以上の有機層で構成されている。
【００１４】
　ＯＥＬはまた、１つ以上の分子ガラスで製造することができる。分子ガラスは、有機系
、低モル質量の非晶質フィルム形成化合物を説明するために用いられる用語である。Ｊ．
Ｖ．グラズレビシウス（Ｊ．Ｖ．Ｇｒａｚｕｌｅｖｉｃｉｕｓ）、Ｐ．ストローリーグル
（Ｐ．Ｓｔｒｏｈｒｉｅｇｌ）著、「電荷輸送ポリマーおよび分子ガラス（“Ｃｈａｒｇ
ｅ－Ｔｒａｎｓｐｏｒｔｉｎｇ Ｐｏｌｙｍｅｒｓ ａｎｄ Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ Ｇｌａｓ
ｓｅｓ”）」、Ｈａｎｄｂｏｏｋ ｏｆ Ａｄｖａｎｃｅｄ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ ａｎｄ
 Ｐｈｏｔｏｎｉｃ Ｍａｔｅｒｉａｌｓ ａｎｄ Ｄｅｖｉｃｅｓ、Ｈ．Ｓ．ナルワ（Ｈ．
Ｓ．Ｎａｌｗａ）編、１０、２００１年、２３３に記載されているような正孔輸送、電子
輸送、二極分子ガラスが周知である。分子ガラスの溶解度は、多層電子構造を通常に製造
する方法を制限することがある。例えば、分子ガラスの正孔輸送層の上に発光ポリマー層
を溶液塗布することは、２層の材料が同じ溶剤に可溶性である場合、可能でないことがあ
る。例えば、溶液塗布した正孔輸送層および蒸着した発光層および電子輸送層を有する素
子が、以前、形成されている。
【００１５】
　素子構造体の例として、図１は、素子層１１０および基材１２０を備えるＯＥＬ表示ま
たは素子１００を示す。他の何れかの適した表示成分もまた、表示１００と共に備えても
よい。任意に、電子表示、素子、またはランプと共に使用するのに適した付加的な光学要
素または他の素子を、任意の要素１３０によって示すように表示１００と視認者位置１４
０との間に設けることができる。
【００１６】
　図示した実施態様と同様ないくつかの実施態様において、素子層１１０は、視認者の位
置１４０の方向に基材を通して発光する１つ以上のＯＥＬ素子を備える。視認者の位置１
４０は、それが実際の人間の観察者、スクリーン、光学成分、電子素子等の何れであるか
を問わず放射された光の所期の行先を示すために一般的に用いられる。他の実施態様にお
いて（図示しない）、素子層１１０が、基材１２０と視認者の位置１４０との間に配置さ
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れる。基材１２０が素子層１１０によって放射された光を透過するとき、および透明な導
電性電極が素子の発光層と基材との間に素子内に配置されるとき、図１に示した素子配置
（「下面発光型」と呼ばれる）が用いられてもよい。基材１２０が素子層によって放射さ
れた光を透過または透過しない時および基材と素子の発光層との間に配置された電極が素
子によって放射された光を透過しない時に逆配置（「上面発光型」と呼ばれる）が用いら
れてもよい。
【００１７】
　素子層１１０は、何れかの適した方法で配列された１つ以上のＯＥＬ素子を備えること
ができる。例えば、ランプの適用において（例えば、液晶表示（ＬＣＤ）モジュールのバ
ックライト）、素子層１１０が、所期の全バックライト領域にわたる単一のＯＥＬ素子を
構成する。あるいは、他のランプの適用において、素子層１１０が、同時に作動され得る
複数の近接して隔置された素子を構成することができる。例えば、相対的に小さく且つ近
接して隔置された赤色、緑色、および青色の発光体を共通電極間にパターン化することが
でき、発光体が作動される時に素子層１１０が白色光を放射するようにみえる。バックラ
イトの適用の他の配置もまた考えられる。
【００１８】
　直視型または他の表示の適用において、素子層１１０が、同一または異なった色を放射
する複数の独立してアドレス可能なＯＥＬ素子を備えることが望ましい場合がある。各素
子は、ピクセル化した表示（例えば、高解像度表示）の別個のピクセルまたは別個のサブ
ピクセル、セグメント化表示（例えば、低情報内容表示）の別個のセグメントまたはサブ
セグメント、または別個のアイコン、アイコンの一部分、またはアイコン用のランプ（例
えば、インジケータの適用）を示す。
【００１９】
　少なくともいくつかの場合、ＯＥＬ素子は、カソードとアノードの間に挟まれた１つ以
上の適した有機材料の薄い層を備える。作動されるとき、電子がカソードから有機層中に
注入され、正孔がアノードから有機層中に注入される。注入された電荷が反対電荷をもつ
電極の方向に移動するとき、それらは再結合して、一般に励起子と称される電子－正孔対
を形成することができる。励起子が一般に形成される素子の領域は、再結合領域と称する
ことができる。これらの励起子、または励起状態の種は、基底状態に減衰する時に光の形
でエネルギーを放射することができる。
【００２０】
　正孔輸送層、電子輸送層、正孔注入層、電子注入層、正孔ブロッキング層、電子ブロッ
キング層、バッファ層などの他の層もまた、ＯＥＬ素子中に存在することができる。更に
、光ルミネセンス材料がＯＥＬ素子の発光層または他の層に存在し、例えば、エレクトロ
ルミネセンス材料によって放射された光の色を別の色に変換することができる。これらお
よび他のかかる層および材料を用いて、層状ＯＥＬ素子の電子的性質および挙動を変化さ
せるかまたは調整し、例えば、所望の電流／電圧レスポンス、所望の素子効率、所望の色
、所望の輝度等を達成することができる。
【００２１】
　図４Ａ～４Ｆは、異なったＯＥＬ素子の配置の例を示す。各配置が、基材２５０、アノ
ード２５２、およびカソード２５４を備える。図４Ｃ～４Ｆの配置はまた、正孔輸送層２
５８を備え、図４Ｂおよび４Ｄ～４Ｆの配置は、電子輸送層２６０を備える。これらの層
はそれぞれ、アノードから正孔を、またはカソードから電子を伝導する。各配置はまた、
本発明による重合有機母材に配置された１つ以上の発光ポリマーまたは他の発光分子（例
えば、小分子の発光化合物）などの発光材料を含む発光層２５６ａ、２５６ｂ、２５６ｃ
を備える。発光層２５６ａが正孔輸送材料を備え、発光層２５６ｂが電子輸送材料を備え
、発光層２５６ｃが正孔輸送材料および電子輸送材料の両方を備える。いくつかの実施態
様において、正孔輸送材料または電子輸送材料は、発光ポリマーまたは他の発光分子を含
む重合有機母材形成材料である。他の実施態様において、別個の重合有機母材料が用いら
れる。更に、発光層２５６ａ、２５６ｂ、２５６ｃ中の正孔輸送材料または電子輸送材料
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が、それぞれ、正孔輸送層２５８または電子輸送層２６０に用いられた材料と同一または
異なっていてもよい。
【００２２】
　概して、発光材料と、非晶質母材を形成することができる重合性有機材料とを配合する
ことによって、重合有機母材を形成する。重合性非晶質母材形成材料は、例えば、重合性
部分を有する１種以上の非晶質母材形成化合物を含むことができる。任意に、重合性部分
と反応することができる架橋剤もまた、含むことができる。発光材料（または発光材料の
、１種以上の成分、例えば、１種以上の発光ポリマーまたは小分子）は、重合性非晶質母
材形成材料と任意に重合することができる。この組成物はまた、任意に、例えば、バイン
ダー、正孔輸送材料、電子輸送材料、および半導電材料などの他の重合性または不活性（
例えば、非重合性）材料（不活性ポリマーを含める）を含むことができる。
【００２３】
　この組成物は典型的には、転写層としてドナーシート上に配置され、発光材料が内部に
配置された重合性非晶質母材を形成する。次に、転写層（任意に、１つ以上の他の転写層
を有する）を、下に記載したように、ドナーシートから受容体に選択的に熱転写する。次
に、重合性非晶質母材形成材料を、転写後に重合させ、重合有機母材を形成することがで
きる。
【００２４】
　ＯＥＬ素子のアノード２５２およびカソード２５４は典型的には、金属、合金、金属化
合物、金属酸化物、導電性セラミックス、導電性分散系、および導電性ポリマー、例えば
、金、白金、パラジウム、アルミニウム、カルシウム、チタン、窒化チタン、インジウム
スズ酸化物（ＩＴＯ）、フッ素スズ酸化物（ＦＴＯ）、およびポリアニリンなどの導電材
料を用いて形成される。アノード２５２およびカソード２５４は導電材料の単一層である
か、または多層を含むことができる。例えば、アノードまたはカソードが、アルミニウム
層と金の層、カルシウム層とアルミニウム層、アルミニウム層とフッ化リチウム層、また
は金属層と導電性有機層を備えてもよい。
【００２５】
　正孔輸送層２５８は、アノードから前記素子への正孔の注入、および再結合領域の方向
へのそれらの移動を容易にする。正孔輸送層２５８は更に、電子の、アノード２５２への
移行のバリアの働きをすることができる。正孔輸送層２５８は、例えば、Ｎ，Ｎ’－ビス
（３－メチルフェニル）－Ｎ，Ｎ’－ビス（フェニル）ベンジジン（ＴＰＤとしても周知
である）またはＮ，Ｎ’－ビス（３－ナフタレン－２－イル）－Ｎ，Ｎ’－ビス（フェニ
ル）ベンジジン（ＮＰＢ）などのジアミン誘導体、または、４，４’，４’’－トリス（
Ｎ，Ｎ－ジフェニルアミノ）トリフェニルアミン（ＴＤＡＴＡ）または４，４’，４’’
－トリス（Ｎ－３－メチルフェニル－Ｎ－フェニルアミノ）トリフェニルアミン（ｍＴＤ
ＡＴＡ）などのトリアリールアミン誘導体、を含むことができる。他の例には、銅フタロ
シアニン（ＣｕＰＣ）、１，３，５－トリス（４－ジフェニルアミノフェニル）ベンゼン
（ＴＤＡＰＢ）の他、Ｈ．フジカワ（Ｈ．Ｆｕｊｉｋａｗａ）ら著、Ｓｙｎｔｈｅｔｉｃ
 Ｍｅｔａｌｓ、９１、１６１（１９９７年）、シロタ（Ｓｈｉｒｏｔａ）、Ｊ．Ｍａｔ
ｅｒ．Ｃｈｅｍ．、１０、１、（２０００年）およびＪ．Ｖ．グラズレビシウス（Ｊ．Ｖ
．Ｇｒａｚｕｌｅｖｉｃｉｕｓ）、Ｐ．ストローリーグル（Ｐ・Ｓｔｒｏｈｒｉｅｇｌ）
著、「電荷輸送ポリマーおよび分子ガラス（“Ｃｈａｒｇｅ－Ｔｒａｎｓｐｏｒｔｉｎｇ
 Ｐｏｌｙｍｅｒｓ ａｎｄ Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ Ｇｌａｓｓｅｓ”）」、Ｈａｎｄｂｏｏ
ｋ ｏｆ Ａｄｖａｎｃｅｄ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ ａｎｄ Ｐｈｏｔｏｎｉｃ Ｍａｔｅｒ
ｉａｌｓ ａｎｄ Ｄｅｖｉｃｅｓ，Ｈ．Ｓ．ナルワ（Ｈ．Ｓ．Ｎａｌｗａ）編、１０、２
３３～２７４（２００１年）に記載されているような他の化合物がある。
【００２６】
　電子輸送層２６０は、電子の注入およびそれらの、再結合領域の方向への移動を容易に
する。正孔輸送層２６０は更に、必要ならば、正孔の、カソード２５４への移行のバリア
の働きをすることができる。例として、電子輸送層２６０が、有機金属化合物トリス（８
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－ヒドロキシキノラト）アルミニウム（ＡｌＱ）を用いて形成されてもよい。電子輸送材
料の他の例には、１，３－ビス［５－（４－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）－１
，３，４－オキサジアゾール－２－イル］ベンゼン、２－（ビフェニル－４－イル）－５
－（４－（１，１－ジメチルエチル）フェニル）－１，３，４－オキサジアゾール（ｔＢ
ｕＰＢＤ）の他、Ｃ．Ｈ．チェンら著、Ｍａｃｒｏｍｏｌ．Ｓｙｍｐ．１２５、１（１９
９７年）、シロタ（Ｓｈｉｒｏｔａ）、Ｊ．Ｍａｔｅｒ．Ｃｈｅｍ．、１０、１、（２０
００年）およびＪ．Ｖ．グラズレビシウス（Ｊ．Ｖ．Ｇｒａｚｕｌｅｖｉｃｉｕｓ）、Ｐ
・ストローリーグル（Ｐ．Ｓｔｒｏｈｒｉｅｇｌ）著、「電荷輸送ポリマーおよび分子ガ
ラス（“Ｃｈａｒｇｅ－Ｔｒａｎｓｐｏｒｔｉｎｇ Ｐｏｌｙｍｅｒｓ ａｎｄ Ｍｏｌｅ
ｃｕｌａｒ Ｇｌａｓｓｅｓ”）」、Ｈａｎｄｂｏｏｋ ｏｆ Ａｄｖａｎｃｅｄ Ｅｌｅｃ
ｔｒｏｎｉｃ ａｎｄ Ｐｈｏｔｏｎｉｃ Ｍａｔｅｒｉａｌｓ ａｎｄ Ｄｅｖｉｃｅｓ，
Ｈ．Ｓ．ナルワ（Ｈ．Ｓ．Ｎａｌｗａ）編、１０、２３３（２００１年）に記載されてい
るような他の化合物がある。
【００２７】
　多くの方法が、ＯＥＬ素子を作製するために使用され、試みられている。例えば、ＳＭ
発光素子が、正孔輸送、発光、および電子輸送分子の連続的な蒸着によって形成されてい
る。前記層は堆積時に非晶質であるが、時間をかけて晶出し、それらの電荷輸送および発
光性質を減少させることができる。一般に、ＳＭ材料は素子の耐用年数の間に、溶剤乾燥
した時にまたは後に微結晶を形成する傾向があるので、それらを溶液流延するのが難しい
ことがある。
【００２８】
　別の例として、ＬＥＰ材料ベースの発光層が、ポリマーの薄い層を溶液塗布することに
よって製造されている。この方法は、単色の表示またはランプに適している場合がある。
溶液流延工程によって製造された素子の場合、多数の溶剤流延工程によって多層素子を作
製することは、ずっと難しい。層が異なった溶剤から流延される多層素子を製造すること
ができ、第１の不溶性層をｉｎ ｓｉｔｕ形成して第２の層を溶剤流延するか、第１の層
を溶液流延して第２の層を蒸着するか、または前記層の一方または両方が架橋される。
【００２９】
　ポリマー分散小分子素子が、ホストポリマー（例えば、ポリビニルカルバゾール）と１
種以上の小分子ドーパントの混合物とのブレンドを溶液流延することによって製造されて
いる。一般に、これらの素子は作動するのに高電圧を必要とし、表示の適用に適していな
い。更に、それらは、ＬＥＰと同様のパターン化の制限がある。
【００３０】
　素子の別の形成方法には、例えば、米国特許第６，２４２，１５２号、同第６，２２８
，５５５号、同第６，２２８，５４３号、同第６，２２１，５５３号、同第６，２２１，
５４３号、同第６，２１４，５２０号、同第６，１９４，１１９号、同第６，１１４，０
８８号、同第５，９９８，０８５号、同第５，７２５，９８９号、同第５，７１０，０９
７号、同第５，６９５，９０７号、および同第５，６９３，４４６号の他、本願と同一の
譲受人に譲渡された米国特許出願第０９／８５３，０６２号、同第０９／８４４，６９５
号、同第０９／８４４，１００号、同第０９／６６２，９８０号、同第０９／６６２，８
４５号、同第０９／４７３，１１４号、同第０９／４５１，９８４号、同第０９／９３１
，５９８号、同第１０／００４，７０６号、および同第１０／１８３，７１７号に記載さ
れているようにレーザ熱パターン化することによる、１つ以上の転写層の転写、などがあ
る。パターン化方法は、転写層の物理的性質に依存することがある。１つのパラメータは
転写層の凝集力、またはフィルム強度、である。画像形成の間に、転写層は好ましくは、
画像形成領域と非画像形成領域とを分ける線に沿ってきれいに割れてパターンのエッジを
形成する。ポリフェニレンビニレンなど、伸び切り鎖構造において存在する高共役ポリマ
ーは高引張強さを有し、ポリアラミド繊維の弾性率に同等の弾性率を有することができる
。実施において、発光ポリマーをレーザ熱画像形成の間にきれいなエッジを形成するのは
難しい場合がある。不十分なエッジ形成の望ましくない結果は、転写されたパターンの粗
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い、裂けた、またはぎざぎざのエッジである。
【００３１】
　これらの先行の方法に代わる選択肢または改良として、又、上に記載した問題点のいく
つかに対処するために、１つ以上の発光ポリマー（ＬＥＰ）または他の発光分子などの発
光材料を、晶出を防止する非晶質母材を形成することができる重合性材料を含む塗料の一
部として溶液塗布することができる。母材の非晶質の性質は、以下に記載したように、ド
ナー媒体から受容体に転写する間に、代表的なポリマー転写層と比べて、低い凝集強さを
提供することができる。母材形成材料の非晶質の性質はまた、１つより多い電気活性材料
（例えば、２つの、ほかの場合なら不相溶性のＬＥＰまたはＬＥＰと燐光発光体）を相溶
化させるように作用することができる。非晶質母材形成材料の重合性の性質を用いて、転
写後に層の転写部分を強化し、転写部分のより良好な耐久性、並びに、少なくともいくつ
かの場合、他の素子の性質を改善することができる。
【００３２】
　ＬＥＰを以下の説明の例として用いるが、他の発光性、半導電性、正孔輸送性、電子輸
送性、または別の仕方で電気活性の分子が、１つ以上のＬＥＰの代わりにまたはそれらに
加えて用いることができることは理解されよう。更に、レーザ熱転写が発光および他の層
を形成する方法の例として用いられるが、しかしながら、インクジェット印刷、スクリー
ン印刷、サーマルヘッド印刷、およびフォトリソグラフィパターン化などの他の転写、パ
ターン化、および印刷技術を用いることができることは、理解されよう。
【００３３】
　何れの有機材料をも重合性非晶質母材形成材料に用いることができるが、ただし、（ｉ
）材料を溶液塗布して材料を受容体に転写する前に材料の期待耐用年数の間にかなりの晶
出を防止する非晶質母材を形成し、（ｉｉ）材料を、受容体に転写後に重合させることが
できる。特に指示しない限り、重合性非晶質母材形成材料の重合への言及は何れも、材料
がそれによって重合されるかまたは架橋される機構を含める。かかる重合は、例えば、重
合性非晶質母材形成材料によって、任意に光または熱硬化開始剤を含む熱または光硬化条
件下で行われてもよい。重合は、例えば、重合性非晶質母材形成材料中の同一の非晶質母
材形成化合物の２つ以上の間で（例えば、自己重合）、重合性非晶質母材を形成する有機
材料中の２つ以上の異なった非晶質母材形成化合物の間で（例えば、二官能重合（ｂｉｆ
ｕｎｃｔｉｏｎａｌ ｐｏｌｙｍｅｒｉｚａｔｉｏｎ））、または重合性非晶質母材形成
材料中の１つ以上の非晶質母材形成化合物および架橋剤の間で行われてもよい。好ましく
は、重合性非晶質母材形成材料は、ドナーシートから受容体に転写する前に実質的に重合
または架橋しない。
【００３４】
　適した重合性非晶質母材形成化合物は典型的には、２つ以上の重合性部分が結合したベ
ース構造を含む。前記ベース構造は典型的には、非晶質母材を形成することができる材料
に似ている。かかる材料の例には、米国特許出願第０９／９３１，５９８号に記載された
材料があり、それらを本明細書に援用したものとする。適したベース構造の他の例は、Ｊ
．Ｖ．グラズレビシウス（Ｊ．Ｖ．Ｇｒａｚｕｌｅｖｉｃｉｕｓ）、Ｐ．ストローリーグ
ル（Ｐ．Ｓｔｒｏｈｒｉｅｇｌ）著、「電荷輸送ポリマーおよび分子ガラス（“Ｃｈａｒ
ｇｅ－Ｔｒａｎｓｐｏｒｔｉｎｇ Ｐｏｌｙｍｅｒｓ ａｎｄ Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ Ｇｌａ
ｓｓｅｓ”）」、Ｈａｎｄｂｏｏｋ ｏｆ Ａｄｖａｎｃｅｄ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ ａｎ
ｄ Ｐｈｏｔｏｎｉｃ Ｍａｔｅｒｉａｌｓ ａｎｄ Ｄｅｖｉｃｅｓ，Ｈ．Ｓ．ナルワ（Ｈ
．Ｓ．Ｎａｌｗａ）編、１０、２３３～２７４（２００１年）、シロタ（Ｓｈｉｒｏｔａ
）、Ｊ．Ｍａｔｅｒ．Ｃｈｅｍ．、１０、１、（２０００年）、クレーガー（Ｋｒｅｇｅ
ｒ）ら著、Ｓｙｎｔｈｅｔｉｃ Ｍｅｔａｌｓ、１１９、１６３（２００１年）、ＰＣＴ
特許出願の国際公開第９９／２１９３５号および国際公開第００／０３５６５号、ロビン
ソン（Ｒｏｂｉｎｓｏｎ）ら著、Ａｄｖ．Ｍａｔ．、２０００年、１２（２２）、１７０
１に記載されている。これらの材料を、２つ以上の重合性部分が結合したベース構造と同
じように用いることができる。
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【００３５】
　重合性部分は、使用することにより他の重合性非晶質母材形成化合物および架橋剤を含
む重合性非晶質母材形成用の有機材料中の他の分子と重合することができる何れの基であ
ってもよい。いくつかの場合には、発光材料または発光材料の成分の１つ以上が、又、重
合性部分と重合することができる。
【００３６】
　適した重合性非晶質母材形成化合物の１つの例は、式１：
【化１】

によって示され、上式中、３個のビニル基が重合性部分に相当し、分子の残り部分がベー
ス構造である。２個だけのビニル基を有し、第３のビニル基が何れかの他の部分（水素を
含める）によって置換された別の適した材料を製造できることは、理解されよう。他の適
した材料を、他の重合性部分を用いて製造することができる。例えば、式１の構造２（重
合性ビニル基を有する）の１つ以上を、ビニル基以外の重合性部分を有する構造３～１０
の何れかによって、例えば、重合性ペルフルオロビニルエーテル基（３）、ペンタジエニ
ル基（４）、アジド基（５）、アルキニル基（６）、（メタ）アクリレート基（７）、フ
ェニルアルキニル基（８）、イソシアナト基（９）、およびベンゾシクロブタン基（１０
）によって置換することができる。
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【化２】

他の重合性部分には、例えば、ヒドロキシル、オキセタン、チイラン、エポキシドおよび
アルコキシシランなどがある。
【００３７】
　重合性部分が、別の分子上の同じ重合性部分と、または異なった分子上の別の重合性部
分と反応するように選択することができる。いくつかの実施態様において、特定の重合性
非晶質母材形成化合物の重合性部分のすべてが同一である。他の実施態様において、２つ
以上の異なった重合性部分を、重合性非晶質母材形成化合物に配置することができる。こ
れらの２つ以上の異なった重合性部分は、その部分のタイプの１つがその部分の別のタイ
プと重合または架橋するように選択することができる（例えば、アジドとアルキン、酸と
エポキシド、酸とイソシアネート、アルコールとイソシアネート、およびアルコールとシ
ランが、用いることができる重合性部分の組合せの例である）。単一化合物に重合性部分
の両方のタイプを与えるすることに代わる選択肢として、重合性非晶質母材形成材料が、
２つ以上の異なる化合物、例えば、１つの化合物に結合した重合性部分の１つのタイプお
よび別の化合物に結合した重合性部分の別のタイプを含むことができる。次いで、２つの
化合物同士が反応して重合することができる。
【００３８】
　適した重合性非晶質母材形成化合物の他の例には、以下の例があるがこれらに限定され
ない。
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【化３】
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【化４】

【００３９】
　重合性部分が結合することができる、適したベース構造の例には、電気活性側基を有す
る四面体コアーを有する構造がある。かかる構造体の例には、テトラフェニルメタン１１
、テトラフェニルシラン１２、およびテトラフェニルアダマンタン１３、並びにテトラフ
ェニルゲルマン、テトラフェニルプルンバン、およびテトラフェニルスタナン（すなわち
、１２のＳｉをそれぞれ、Ｇｅ、Ｐｂ、またはＳｎで置換する）。

【化５】

各Ｒが独立して、正孔（例えばカチオンラジカルとして）、電子（例えばアニオンラジカ
ルとして）を安定化するか、または発色団の働きをする１個以上の共役官能基（例えば、
アリール、アリーレン、ヘテロアリール、ヘテロアリーレン、アルケニル、またはアルケ
ニレン）を含む置換基である。各Ｒ置換基が他のＲ置換基と同一または異なっていてもよ
い。すべてのＲ置換基が同一であるとき、分子は典型的には特定の対称性を有する。Ｒ置
換基の少なくとも１個が異なっているとき、分子は、非晶質母材の形成および維持を更に
容易にする場合がある非対称性を有する。いくつかの場合には、Ｒは、Ｒが結合して例え
ば、置換または非置換ナフチルまたは他の縮合環構造を形成するフェニル基に結合してい
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る芳香環を含む。かかる材料の例および更に詳細な説明は、例えば、ＰＣＴ特許出願の国
際公開第００／０３５６５号およびロビンソンら著、Ａｄｖ．Ｍａｔ．、２０００年、１
２（２２）、１７０１に見出すことができる。概して、重合性部分は、Ｒ置換基に結合し
た官能基である。
【００４０】
　いくつかの実施態様において、Ｒ置換基は、例えば、１個以上のアルケニル、アルケニ
レン、アリール、アリーレン（例えば、フェニレン、ナフチレン、またはアントリレン）
、ヘテロアリール、またはヘテロアリーレン官能基を有する１個以上の共役構造を含む。
前記置換基は、窒素および酸素などのヘテロ原子を含むことができる伸長π－共役系を有
することができる。前記共役系は、カチオンラジカル（例えば正孔）を安定化する電子豊
富部分（例えばトリアリールアミン）、アニオンラジカル（例えば電子）を安定化する電
子欠乏部分、または発色団の働きをする紫外線－可視域のＨＯＭＯ－ＬＵＭＯ（最高被占
分子軌道－最低空分子軌道）ギャップを含むことができる。適したＲ基の例には、以下の
基があるがそれらに限定されない。

【化６】

【００４１】
　適した四面体ベース構造の特定の例には、構造１４～１６がある。
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【化７】

Ｘが、Ｃ、Ｓｉ、Ｇｅ、Ｐｂ、またはＳｎであり、Ｒ2がＨまたはアルキルである。構造
１５および１６が、発色団であってもよいフルオレン部分を含む。これらの特定のフルオ
レンは典型的には、青～紫外線の範囲のバンドギャップを有する。かかる材料は、赤また
は緑の領域で発光するＬＥＰに有用である場合があり、発光は、主にまたはもっぱらＬＥ
Ｐからである。
【００４２】
　又、このタイプのベース構造には、構造１７～１９などのスピロ構造があり、
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【化８】

上式中、各Ｒが独立して、１個以上のアルケニル、アルケニレン、アリール、アリーレン
（例えば、フェニレン、ナフチレン、またはアントリレン）、ヘテロアリール、またはヘ
テロアリーレン官能基を有する共役構造である。前記置換基は、窒素および酸素などのヘ
テロ原子を含むことができる伸長π－共役系を有することができる。前記共役系は、カチ
オンラジカル（例えば正孔）を安定化する電子豊富部分（例えばトリアリールアミン）、
アニオンラジカル（例えば電子）を安定化する電子欠乏部分、または発色団の働きをする
紫外線－可視域のＨＯＭＯ－ＬＵＭＯ（最高被占分子軌道－最低空分子軌道）ギャップを
含むことができる。又、重合性部分は、これらのベース構造のＲ置換基またはフェニル基
に結合した官能基である。
【００４３】
　重合性非晶質母材形成化合物に使用できる他のベース構造には、デンドリマーがある。
デンドリマー構造は、３個以上のデンドリティック置換基が伸長するコアー部分を有する
。適したコアー部分の例には、トリフェニルアミン、ベンゼン、ピリジン、ピリミジンの
他、ＰＣＴ特許出願の国際公開第９９／２１９３５号に記載された他のコアー部分がある
。デンドリティック置換基は典型的には、２個以上のアリール、アリーレン（例えば、フ
ェニレン）、ヘテロアリール、ヘテロアリーレン、アルケニル、またはアルケニレン置換
基を含む。いくつかの実施態様において、前記置換基は、１個以上のアルケニル、アルケ
ニレン、アリール、アリーレン（例えば、フェニレン、ナフチレン、またはアントリレン
）、ヘテロアリール、またはヘテロアリーレン部分を有する共役構造であってもよい。デ
ンドリティック置換基は、同一または異なっていてもよい。概して、重合性部分は、デン
ドリティック置換基に結合している。デンドリマー化合物の例には、化合物２０～２６な
ど、例えば、トリフェニルアミンをベースとしたスターバースト化合物がある。
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【化１０】

各Ｒ1およびＲ2が独立して、Ｈ、Ｆ、Ｃｌ、Ｂｒ、Ｉ、－ＳＨ、－ＯＨ、アルキル、アリ
ール、ヘテロアリール、フルオロアルキル、フルオロアルキルアルコキシ、アルケニル、
アルコキシ、アミノ、またはアルキル－ＣＯＯＨである。各Ｒ3が独立して、Ｈ、Ｆ、Ｃ
ｌ、Ｂｒ、Ｉ、アルキル、フルオロアルキル、アルコキシ、アリール、アミノ、シアノ、
またはニトロである。各Ｘ1が独立して、Ｏ、Ｓ、Ｓｅ、ＮＲ3、ＢＲ3、またはＰＲ3であ
る。これらの置換基の何れかのアルキル、アリール、およびヘテロアリール部分が置換さ
れるかまたは非置換であってもよい。各Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3、およびＸ1が同一であるかまたは
同じ番号の置換基と異なっている（すなわち、すべてのＲ1置換基が同じであるかまたは
Ｒ1置換基の１個以上が互いに異なっていてもよい）。
【００４４】
　他のデンドリマー構造が、化合物２７～３６など、コアーとしてアリールまたはヘテロ
アリール部分を有することができる。
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【化１１】

各Ａｒ1およびＡｒ2が独立して、置換または非置換アリールまたはヘテロアリール、例え
ば、置換または非置換フェニル、ピリジン、ピロール、フラン、チオフェン、または以下
の構造の１つである。
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【化１２】

各Ｒ1およびＲ2が独立して、Ｈ、Ｆ、Ｃｌ、Ｂｒ、Ｉ、－ＳＨ、－ＯＨ、アルキル、アリ
ール、ヘテロアリール、フルオロアルキル、フルオロアルキルアルコキシ、アルケニル、
アルコキシ、アミノ、またはアルキル－ＣＯＯＨである。各Ｒ3が独立して、Ｈ、Ｆ、Ｃ
ｌ、Ｂｒ、Ｉ、アルキル、フルオロアルキル、アルコキシ、アリール、アミノ、シアノ、
またはニトロである。各Ｘ1およびＸ2が独立して、Ｏ、Ｓ、Ｓｅ、ＮＲ3、ＢＲ3、または
ＰＲ3である。これらの置換基の何れかのアルキル、アリール、およびヘテロアリール部
分が、置換されているかまたは非置換であってもよい。各Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3、Ｘ1、およびＸ

2が同一であるかまたは同じ番号の置換基と異なっていてもよい（すなわち、すべてのＲ1

置換基が同じであるかまたはＲ1置換基の１個以上が互いに異なっていてもよい）。
【００４５】
　重合性非晶質母材形成化合物の他のベース構造には、例えば、構造３７～４２がある。
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【化１３】

各Ａｒ1およびＡｒ2が独立して置換または非置換アリールまたはヘテロアリールであり、
ｎが１～６の範囲の整数であり、各Ｒ1が独立して、Ｈ、Ｆ、Ｃｌ、Ｂｒ、Ｉ、－ＳＨ、
－ＯＨ、アルキル、アリール、ヘテロアリール、フルオロアルキル、フルオロアルキルア
ルコキシ、アルケニル、アルコキシ、アミノ、またはアルキル－ＣＯＯＨである。各Ｒ3

が独立して、Ｈ、Ｆ、Ｃｌ、Ｂｒ、Ｉ、アルキル、フルオロアルキル、アルコキシ、アリ
ール、アミノ、シアノ、またはニトロである。各Ｘ、Ｘ1、およびＸ2が独立して、Ｏ、Ｓ
、Ｓｅ、ＮＲ3、ＢＲ3、またはＰＲ3である。これらの置換基の何れかのアルキル、アリ
ール、およびヘテロアリール部分が、置換されているかまたは非置換であってもよい。各
Ｒ1、Ｒ2、Ｒ3、Ｘ、Ｘ1、およびＸ2が同一であるかまたは同じ番号の置換基と異なって
いてもよい（すなわち、すべてのＲ1置換基が同じであるかまたはＲ1置換基の１個以上が
互いに異なっていてもよい）。
【００４６】
　任意の架橋剤が、重合性非晶質母材形成材料の一部分として重合性非晶質母材形成化合
物と共に含まれてもよい。架橋剤は必ずしも非晶質母材を形成しないが、又、その非晶質
母材の形成を妨げない。架橋剤は、重合性非晶質母材形成化合物と重合することができる
２つ以上の重合性部分を有する。いくつかの実施態様において、架橋剤は、受容体に転写
後に重合性非晶質母材形成材料を重合させるために必要である。適した材料の例には、ト
リグリシジルトリフェニルエタン（４３）、トリグリシジルイソシアヌレート（４４）、
テトラメトキシメチルグリコウリル（４５）、トリス－１，３，５－（ｐ－トリメトキシ
シリルフェニル）ベンゼン（４６）、およびトリス（ｐ－トリメトキシシリルプロピルフ
ェニル）アミン（４７）などがある。
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【化１４】

例えば、２個以上のヒドロキシル部分を有する非晶質母材形成化合物を、架橋剤としてト
リス－１，３，５－（ｐ－トリメトキシシリルフェニル）ベンゼンまたはトリス（ｐ－ト
リメトキシシリルプロピルフェニル）アミンを用いて重合させることができる。
【００４７】
　特に指示しない限り、用語「アルキル」は、直鎖状、分枝状、および環状アルキル基の
両方を含み、非置換および置換アルキル基を含める。特に指示しない限り、アルキル基は
典型的には、Ｃ１～Ｃ２０である。本明細書中で用いた「アルキル」の例には、メチル、
エチル、ｎ－プロピル、ｎ－ブチル、ｎ－ペンチル、イソブチル、およびイソプロピルな
どがあるがこれらに限定されない。
【００４８】
　特に指示しない限り、用語「アルキレン」は、直鎖状、分枝状、および環状二価炭化水
素基の両方を含み、非置換および置換アルケニレン基を含める。特に指示しない限り、ア
ルキレン基は典型的には、Ｃ１～Ｃ２０である。本明細書中で用いた「アルキレン」の例
には、メチレン、エチレン、プロピレン、ブチレン、およびイソプロピレンなどがあるが
これらに限定されない。
【００４９】
　特に指示しない限り、用語「アルケニル」は、１個以上の二重結合を有する直鎖状、分
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枝状、および環状一価炭化水素基の両方を含み、非置換および置換アルケニル基を含める
。特に指示しない限り、アルケニル基は典型的には、Ｃ２～Ｃ２０である。本明細書中で
用いた「アルケニレン」の例には、エテニル、プロペニルなどがあるがこれらに限定され
ない。
【００５０】
　特に指示しない限り、用語「アルケニレン」は、１個以上の二重結合を有する直鎖状、
分枝状、および環状二価炭化水素基の両方を含み、非置換および置換アルケニレン基の両
方を含める。特に指示しない限り、アルキレン基は典型的にはＣ２～Ｃ２０である。本明
細書中で用いた「アルケニレン」の例には、エテン－１，２－ジイル、プロペン－１，３
－ジイルなどがあるがこれらに限定されない。
【００５１】
　特に指示しない限り、用語「アリール」は、フェニルまたはビフェニル、もしくは多数
の縮合環、例えば、ナフチルまたはアントリル、またはそれらの組合せなど、１～１５の
環を有する一価の不飽和芳香族炭素環基を指す。本明細書中に用いたアリールの例には、
フェニル、２－ナフチル、１－ナフチル、ビフェニル、２－ヒドロキシフェニル、２－ア
ミノフェニル、２－メトキシフェニルなどがあるがそれらに限定されない。
【００５２】
　特に指示しない限り、用語「アリーレン」は、フェニレンまたは多数の縮合環、例えば
ナフチレンまたはアントリレン、またはそれらの組合せなど、１～１５の環を有する二価
の不飽和芳香族炭素環基を指す。本明細書中に用いた「アリーレン」の例には、ベンゼン
－１，２－ジイル、ベンゼン－１，３－ジイル、ベンゼン－１，４－ジイル、ナフタリン
－１，８－ジイル、アントラセン－１，４－ジイルなどがあるがそれらに限定されない。
【００５３】
　特に指示しない限り、用語「ヘテロアリール」は、Ｓ、Ｏ、またはＮから独立して選択
された１個以上のヘテロ原子を有する、一価の５～７員環の芳香環基を含む官能基を指す
。かかるヘテロアリール環は、別の複素環、ヘテロアリール環、アリール環、シクロアル
ケニル環、またはシクロアルキル環の１個以上に任意に結合していてもよい。本明細書中
に用いた「ヘテロアリール」の例には、フリル、チオフェニル、ピロリル、イミダゾリル
、ピラゾリル、トリアゾリル、テトラゾリル、チアゾリル、オキサゾリル、イソオキサゾ
リル、オキサジアゾリル、チアジアゾリル、イソチアゾリル、ピリジニル、ピリダジニル
、ピラジニル、ピリミジニル、キノリニル、イソキノリニル、ベンゾフリル、ベンゾチオ
フェニル、インドリル、およびインダゾリルなどがあるがそれらに限定されない。
【００５４】
　特に指示しない限り、用語「ヘテロアリーレン」は、Ｓ、Ｏ、またはＮから独立して選
択された１個以上のヘテロ原子を有する、二価の５～７員環の芳香環基を含む官能基を指
す。かかるヘテロアリーレン環は、別の複素環、ヘテロアリール環、アリール環、シクロ
アルケニル環、またはシクロアルキル環の１個以上に任意に結合していてもよい。本明細
書中に用いた「ヘテロアリーレン」の例には、フラン－２，５－ジイル、チオフェン－２
，４－ジイル、１，３，４の－オキサジアゾール－２，５－ジイル、１，３，４の－チア
ジアゾール－２，５－ジイル、１，３－チアゾール－２，４－ジイル、１，３の－チアゾ
ール－２，５－ジイル、ピリジン－２，４－ジイル、ピリジン－２，３－ジイル、ピリジ
ン－２，５－ジイル、ピリミジン－２，４－ジイル、キノリン－２，３－ジイルなどがあ
るがそれらに限定されない。
【００５５】
　置換アルキル、アルキレン、アルケニル、アルケニレン、アリール、アリーレン、ヘテ
ロアリール、およびヘテロアリーレン基の適した置換基には、アルキル、アルキレン、ア
ルコキシ、アリール、アリーレン、ヘテロアリール、ヘテロアリーレン、アルケニル、ア
ルケニレン、アミノ、Ｆ、Ｃｌ、Ｂｒ、Ｉ、－ＯＨ、－ＳＨ、シアノ、ニトロ、－ＣＯＯ
Ｈ、および－ＣＯＯ－アルキルなどがあるがそれらに限定されない。
【００５６】
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　好ましくは、重合性非晶質母材形成材料が、期待された操作および貯蔵条件下で安定し
た結晶相を形成する実質的な傾向を有しないか、または形成しない。好ましくは、重合性
非晶質母材形成材料は期待された貯蔵条件下で重合する実質的な傾向を有しない。更に、
好ましくは、重合性非晶質母材形成材料および発光材料が相溶性であるかまたは共通溶剤
に可溶性であり、溶液塗布する間に本質的に相分離せず、より好ましくは、溶剤の除去時
に相分離しない。
【００５７】
　一般に、非晶質母材が形成されるとき、非晶質母材／ＬＥＰ（または他の発光材料）ブ
レンドの凝集力を低減させるための域値は、ＬＥＰが不連続相になる点（２つの観察可能
な相がある場合）、またはＬＥＰ鎖が非晶質母材によって溶解される点（単一相が存在す
る場合）である。概して、発光ポリマーまたは他の発光分子の全量が、塗料の固形分の５
０重量％以下であり、固形分の４０重量％、２５重量％、またはそれ以下であってもよい
。典型的には、重合性非晶質母材形成材料の、発光材料（例えば、発光ポリマー）に対す
る重量比は少なくとも１：１、典型的には１：１～１００：１の範囲である。概して、少
なくとも１：１、典型的には少なくとも２：１または３：１以上の比が、熱転写の適用に
適している。
【００５８】
　いくつかの実施態様において、重合性非晶質母材形成材料は、正孔または電子輸送材料
であるかまたはそれらを含む。これらの実施態様のいくつかにおいて、正孔または電子輸
送層が、重合性非晶質母材形成材料またはその成分を用いて形成され、同じ重合性非晶質
母材形成材料を含む発光層で塗布されるか、またはその上に塗布される。
【００５９】
　いくつかの実施態様において、異なった濃度の発光層を有するいくつかの層を堆積して
所望の断面形を達成することによって、発光材料の勾配を形成することができる。以下に
記載した熱転写方法は、層の各々を順次に転写することによってかかる構造体を製造する
ときに有用である場合がある。更に、異なった発光材料を用いて層を形成し、異なった色
を得るか、または、各画素間に電極を介在させることで、スタック積みした赤、緑、およ
び青色の画素を作り出すことができる。
【００６０】
　重合性非晶質母材形成材料が正孔または電子輸送材料ではない場合、正孔または電子輸
送材料を塗料の一部分として含むことが望ましい場合がある。塗料中に含まれてもよい他
の材料には、例えば、小分子ドーパント（例えばトリプレット発光体）、不活性ポリマー
、熱開始剤、光開始剤、塗布助剤、界面活性剤の他、例えば、凝集力を低減させるための
粒状材料、分散剤、安定剤、および光増感剤などがある。
【００６１】
　いくつかの実施態様において、重合性非晶質母材形成材料はまた、発光分子である。こ
れらの実施態様において、材料および操作条件は、重合性非晶質母材形成材料の代わりに
発光材料によって発光を促進するように選択することが好ましい。例えば、重合性非晶質
母材形成材料は、スペクトルの青色領域で発光することができる場合がある。この場合、
スペクトルの赤または緑の領域で放射する発光ポリマーを選択してもよい。選択は、例え
ば、分子エネルギー転写の機構および材料のバンドギャップに基づいて行うことができる
。いくつかの場合には、発光材料または発光材料の１つ以上の成分が、重合性非晶質母材
形成材料と重合することができる重合性部分を有する。
【００６２】
　発光材料以外の電気活性材料を、重合性非晶質母材形成材料を用いて形成された非晶質
母材に配置させることができることは、理解されよう。例えば、導電性または半導電材料
を、重合性非晶質母材形成材料に配置させることができる。適用の例には、重合性非晶質
母材形成材料に正孔輸送材料または電子輸送材料を配置させることによる正孔輸送層また
は電子輸送層または他の電荷伝導層の形成、がある。非晶質母材を、例えば、上に記載し
た材料の何れかを用いて形成することができる。この構造は、ポリマーそれ自体より低い
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凝集強さを有する層を製造する導電性または半導電ポリマー材料のために特に有用な場合
がある。
【００６３】
　ＬＥＰおよびＳＭ光発光体などののいろいろな発光材料を用いることができる。発光体
には、例えば、螢光および燐光材料などがある。適したＬＥＰ材料の種類の例には、ポリ
（フェニレンビニレン）（ＰＰＶ）、ポリ－パラ－フェニレン（ＰＰＰ）、ポリフルオレ
ン（ＰＦ）、現在周知の、またはその後に開発される他のＬＥＰ材料、およびそれらのコ
ポリマーまたはブレンド、などがある。適したＬＥＰはまた、分子ドープされ、螢光染料
または他のＰＬ材料を分散され、活性または非活性材料をブレンドされ、活性または非活
性材料を分散される等が可能である。適したＬＥＰ材料の例は、クラフト（Ｃｒａｆｔ）
ら著、Ａｎｇｅｗ．Ｃｈｅｍ．Ｉｎｔ．Ｅｄ．、３７、４０２～４２８（１９９８年）、
米国特許第５，６２１，１３１号、同第５，７０８，１３０号、同第５，７２８，８０１
号、同第５，８４０，２１７号、同第５，８６９，３５０号、同第５，９００，３２７号
、同第５，９２９，１９４号、同第６，１３２，６４１号、および同第６，１６９，１６
３号、ＰＣＴ特許出願の国際公開第９９／４０６５５号に記載されている。
【００６４】
　ＳＭ材料は概して、ＯＥＬ表示および素子内で発光体材料、電荷輸送材料として、発光
体層（例えば、発光色を制御するために）または電荷輸送層中でドーパントとして用いる
ことができる有機金属分子材料である。一般に用いられるＳＭ材料には、トリス（８－ヒ
ドロキシキノリン）アルミニウム（ＡｌＱ）、Ｎ，Ｎ’－ビス（３－メチルフェニル）－
Ｎ，Ｎ’－ジフェニルベンジジン（ＴＰＤ）などの金属キレート化合物がある。他のＳＭ
材料は、例えば、Ｃ．Ｈ．チェン（Ｃｈｅｎ）ら著、Ｍａｃｒｏｍｏｌ．Ｓｙｍｐ．１２
５、１（１９９７年）、特開２０００－１９５６７３号、米国特許第６，１５０，０４３
号、同第６，０３０，７１５号および同第６，２４２，１１５号、およびＰＣＴ特許出願
の国際公開第００／１８８５１号（二価ランタニド金属錯体）、国際公開第００／７０６
５５号（シクロ金属化イリジウム化合物など）、および国際公開第９８／５５５６１号に
開示されている。
【００６５】
　図１に戻ると、素子層１１０が基材１２０上に配置される。基材１２０は、ＯＥＬ素子
および表示に適した何れの基材であってもよい。例えば、基材１２０が、ガラス、透明プ
ラスチック、または可視光に本質的に透明である他の適した材料を含むことができる。基
材１２０はまた、可視光線に対して不透明であってもよく、例えば、ステンレス鋼、結晶
性ケイ素、ポリケイ素などであってもよい。ＯＥＬ素子のいくつかの材料は特に、酸素ま
たは水への暴露により損傷を受けやすい場合があるので、基材１２０は好ましくは、十分
な環境バリアを提供するか、または十分な環境バリアを提供する１つ以上の層、塗布、ま
たは積層体を設けられる。
【００６６】
　基材１２０はまた、トランジスタアレイおよび他の電子素子、カラーフィルター、偏光
子、波長板、拡散体、および他の光学素子、絶縁体、バリアリブ、黒色母材、マスク工作
物および他のかかる成分などのＯＥＬ素子および表示に適した任意の数の素子または部品
を備えることができる。概して、１つ以上の電極が、素子層１１０のＯＥＬ素子の残りの
層を形成する前に基材１２０上に塗布、堆積、パターン化されるか、または他の方法で配
置される。光透過基材１２０が用いられ、ＯＥＬ素子が下面発光型であるとき、基材１２
０と発光材料との間に配置される電極は、好ましくは本質的に透明であり、例えば、イン
ジウム・スズ酸化物（ＩＴＯ）または多くの他の透明な導電性酸化物の何れかなどの透明
な導電性電極である。
【００６７】
　要素１３０は、ＯＥＬ表示または素子１００に使用するために適した何れの要素または
要素の組合せであってもよい。例えば、要素１３０は、素子１００がバックライトである
時にＬＣＤモジュールであってもよい。１つ以上の偏光子または他の要素、例えば吸収性
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または反射クリーンアップ偏光子を、ＬＣＤモジュールとバックライト素子１００との間
に設けることができる。あるいは、素子１００がそれ自体、情報表示であるとき、要素１
３０が、偏光子、波長板、タッチパネル、反射防止塗布、汚れ防止塗布、投射スクリーン
、輝度増強フィルム、または他の光学部品、塗布、ユーザインタフェースデバイスなどの
１つ以上を備えることができる。
【００６８】
　発光用の有機電子素子含有材料は、少なくとも一部は、熱転写ドナーシートから所望の
受容基材への発光材料の選択的な熱転写によって作製されてもよい。例えば、発光ポリマ
ー表示およびランプが、ドナーシート上にＬＥＰおよび重合性非晶質母材形成材料を塗布
し、次に、ＬＥＰ層を表示基板に単独で、または他の素子層または材料とともに選択的に
転写して作製されてもよい。
【００６９】
　有機電子素子の発光材料を含む層の選択的な熱転写を、熱転写ドナーを用いて行うこと
ができる。図２は、本発明に使用するのに適した熱転写ドナー２００の例を示す。ドナー
要素２００は、ベース基材２１０、任意の下層２１２、任意の光－熱変換層（ＬＴＨＣ層
）２１４、任意の中間層２１６、および転写層２１８を備える。これらの要素の各々は、
以下の考察でより詳細に記載される。他の層もまた、存在することができる。適したドナ
ーまたはドナー層の例は、米国特許第６，２４２，１５２号、同第６，２２８，５５５号
、同第６，２２８，５４３号、同第６，２２１，５５３号、同第６，２２１，５４３号、
同第６，２１４，５２０号、同第６，１９４，１１９号、同第６，１１４，０８８号、同
第５，９９８，０８５号、同第５，７２５，９８９号、同第５，７１０，０９７号、同第
５，６９５，９０７号、および同第５，６９３，４４６号、および本願と同一の譲受人に
譲渡された米国特許出願第０９／８５３，０６２号、同第０９／８４４，６９５号、同第
０９／８４４，１００号、同第０９／６６２，９８０号、同第０９／６６２，８４５号、
同第０９／４７３，１１４号、同第０９／４５１，９８４号、同第０９／９３１，５９８
号、同第１０／００４，７０６号、および同第１０／１８３，７１７号に開示されている
。
【００７０】
　本発明の方法において、ドナー要素の転写層を受像体に隣接して置き、ドナー要素を選
択的に加熱することによって、ＬＥＰまたは他の材料などの発光有機材料を、ドナーシー
トの転写層から受容基材に選択的に転写することができる。実例として、ドナー中に、し
ばしば別個のＬＴＨＣ層に配置された光－熱変換材料によって吸収され、熱に変換され得
る画像形成輻射線でドナー要素を照射することによって、ドナー要素を選択的に加熱する
ことができる。これらの場合、ドナー基材を通して、受容体を通して、または両方を通し
てドナーを画像形成輻射線に露光することができる。輻射線は、例えばレーザ、ランプ、
または他のかかる輻射線源からの可視光、赤外線、または紫外線などの１つ以上の波長を
含めることができる。サーマルプリントヘッドの使用またはサーマルホットスタンプ（例
えば、ドナーを選択的に加熱するために用いることができるレリーフパターンを有する加
熱シリコーンスタンプなどのパターン化サーマルホットスタンプ）の使用など、他の選択
的な加熱方法もまた、用いることができる。熱転写層の材料をこのように受容体に選択的
に転写して、受容体上に転写された材料のパターンを画像の通り形成することができる。
多くの場合、例えばランプまたはレーザからの光を用いてパターンの通りドナーを露光す
る熱転写は、しばしば達成することができる正確度および精度のために有利である場合が
ある。転写されたパターン（例えば、線、四角形、円または他の形状）の寸法および形状
は、光線の寸法、光線の露光パターン、有向ビームとドナーシートとの接触の時間、また
はドナーシートの材料を選択することによって、制御することができる。又、転写された
パターンは、マスクを通してドナー要素を照射することによって制御することができる。
【００７１】
　記載したように、サーマルプリントヘッドまたは他の加熱要素（パターン化やその他）
もまた使用して、直接にドナー要素を選択的に加熱し、それによって転写層の部分をパタ
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ーンの通り転写することができる。かかる場合、ドナーシート中の光－熱変換材料は任意
である。サーマルプリントヘッドまたは他の加熱要素が、より低解像度のパターンを作る
ために、またはその配置が精密に制御される必要がない要素をパターン化するために特に
適していることがある。
【００７２】
　転写層はまた、転写層を選択的に転写せずにドナーシートから転写することができる。
例えば、典型的には熱または圧力を適用して、転写層を受容基材に接触させた後に剥離で
きる仮ライナーとして本質的に作用するドナー基板上に転写層を形成することができる。
積層転写と称されるかかる方法を用いて、全転写層、またはその大部分を受容体に転写す
ることができる。
【００７３】
　熱物質転写（ｔｈｅｒｍａｌ ｍａｓｓ ｔｒａｎｓｆｅｒ）の方式は、使用された選択
的加熱のタイプ、ドナーを露光するために使用する場合は照射のタイプ、任意のＬＴＨＣ
層の材料および性質のタイプ、転写層の材料のタイプ、ドナーの全構造体、受容基材のタ
イプなどに依存して変更することができる。何れの理論にも縛られることを望まないが、
転写は概して、画像形成条件、ドナーの構造などに依存して選択的な転写の間にその１つ
以上が強められるかまたは弱められる場合がある１つ以上の機構によって行われる。熱転
写の機構の１つは、熱転写層とドナー要素の残部との間の境界面での局部加熱が、選択さ
れた位置のドナーへの熱転写層の接着性を低下させることができる熱溶融粘着転写がある
。ドナー要素が除去される時に転写層の選択された部分が受像体上に残っているように熱
転写層の選択された部分がドナーによりも受像体に強く付着する。熱転写の別の機構には
、局部加熱を用いて転写層の部分をドナー要素から融蝕し、それによって融蝕材料（ａｂ
ｌａｔｅｄ ｍａｔｅｒｉａｌ）を受容体の方向に誘導することができるアブレイティブ
転写（ａｂｌａｔｉｖｅ ｔｒａｎｓｆｅｒ）がある。熱転写の更に別の機構には昇華が
あり、それによって転写層に分散された材料を、ドナー要素中に発生した熱によって昇華
させることができる。昇華された材料の一部分が受容体上に凝縮することができる。本発
明は、ドナーシートの選択的加熱を用いて転写層から受容体表面への材料の転写を起こす
ことができるこれらおよび他の機構の１つ以上を有する転写方式を考察する。
【００７４】
　いろいろな輻射線源を用いてドナーシートを加熱することができる。アナログ技術（例
えば、マスクを通して露光）については、強力光源（例えば、クセノンフラッシュランプ
およびレーザ）が有用である。デジタル画像形成技術については、赤外線、可視光、およ
び紫外線レーザが特に有用である。適したレーザには、例えば、高出力（＞１００ｍＷ）
の単モードレーザダイオード、ファイバー結合レーザダイオード、およびダイオード励起
固体レーザ（例えば、Ｎｄ：ＹＡＧおよびＮｄ：ＹＬＦ）などがある。レーザ露光停滞時
間は、例えば、１００分の数マイクロセカンド～数十マイクロセカンドに広く変更するこ
とができ、レーザフルエンスが、例えば、約０．０１～約５Ｊ／ｃｍ2以上の範囲であっ
てもよい。他の輻射線源および照射条件は、とりわけ、ドナー要素構造体、転写層材料、
熱物質転写の方式、および他のかかる要因に基づいて、適している場合がある。
【００７５】
　基材の大きな領域にわたってスポット配置の高い正確度が望ましいとき（例えば、高情
報内容表示および他のかかる適用）、レーザが輻射線源として特に有用な場合がある。レ
ーザ源はまた、大きな硬質基材（例えば、１ｍ×１ｍ×１．１ｍｍのガラス）および連続
的またはシート状フィルム基材（例えば、厚さ１００μｍのポリイミドシート）の両方と
適合できる。
【００７６】
　画像形成の間に、ドナーシートを受容体と十分に接触させることができ（典型的には、
熱溶融－粘着転写機構の場合が挙げられる）、またはドナーシートを受容体から少し隔置
することができる（アブレイティブ転写機構または材料の昇華転写機構の場合が挙げられ
る）。少なくともいくつかの場合、圧力または真空を使用して、ドナーシートを受容体と
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十分に接触保持することができる。いくつかの場合には、マスクをドナーシートと受容体
との間に配置することができる。かかるマスクは取り外し可能であるか、または転写後に
受容体上に残っていてもよい。光－熱変換材料がドナー中に存在している場合、輻射線源
をＬＴＨＣ層（または輻射線吸収材を含む他の層）を画像の通り（例えば、デジタルに、
またはマスクを通してアナログの露光によって）加熱し、ドナーシートから受容体に転写
層を画像の通り転写またはパターン化することができる。
【００７７】
　典型的には、転写層の選択された部分が、任意の中間層またはＬＴＨＣ層など、ドナー
シートの他の層の相当な部分を転写することなく、受容体に転写される。任意の中間層が
存在することにより、ＬＴＨＣ層から受容体への材料の転写を除くかまたは低減させ、ま
たは転写層の転写された部分の変形を低減させることができる。好ましくは、画像形成条
件下で、ＬＴＨＣ層への任意の中間層の接着性は、転写層への中間層の接着性より大きい
。中間層は画像形成輻射線に対して透過性、反射性、または吸収性であってもよく、ドナ
ーを通して透過された画像形成輻射線のレベルを減衰または他の仕方で制御するかまたは
ドナーの温度を管理し、画像形成の間に転写層への熱的または輻射線による損傷を低減す
るために使用することができる。多数の中間層が存在してもよい。
【００７８】
　１メートル以上の長さおよび幅寸法を有するドナーシートなど、大きなドナーシートを
用いることができる。大きなドナーシートにわたってレーザをラスターするかまたは他の
方法で移動させることができ、レーザが所望のパターンに従ってドナーシートの部分を照
らすように選択的に作動される。あるいは、レーザが固定されていてもよく、ドナーシー
トまたは受容基材がレーザ下で移動させられてもよい。
【００７９】
　いくつかの場合には、２つ以上の異なったドナーシートを順次に用いて受容体上に電子
素子を形成することが必要であり、望ましいか、または都合が良い場合がある。例えば、
多層素子が、別個の層または別個の層積層体を異なったドナーシートから転写することに
よって形成されてもよい。多層積層体はまた、単一ドナー要素から単一転写単位として転
写することができる。例えば、正孔輸送層およびＬＥＰ層を、単一ドナーから同時転写す
ることができる。別の例として、半導性ポリマーおよび発光層を単一ドナーから同時転写
することができる。又、多数のドナーシートを用いて受容体上に別個の成分を同じ層に形
成することができる。例えば、異なった色（例えば、赤、緑、および青）を各々が放射す
ることができるＬＥＰを含む３つの異なったドナーを用いて、全色偏光電子表示のＲＧＢ
サブピクセルＯＥＬ素子を形成することができる。別の例として、発光層を１つのドナー
から熱転写し、その後に、１つ以上の他のドナーから発光層を選択的に熱転写することに
よって導電性または半導性ポリマーをパターン化し、表示に複数のＯＥＬ素子を形成する
ことができる。更に別の例として、（配向されるかまたはされていない）電気活性有機材
料を選択的に熱転写し、その後に、カラーフィルター、発光層、電荷輸送層、電極層など
の１つ以上のピクセルまたはサブピクセル要素を選択的に熱転写することによりパターン
化することによって、有機トランジスタ層をパターン化することができる。
【００８０】
　別個のドナーシートからの材料を、受容体上に他の材料に隣接して転写し、隣接した素
子、隣接した素子の部分、または同じ素子の異なった部分を形成することができる。ある
いは、熱転写または何か他の方法（例えば、フォトリソグラフィ、シャドウマスクを通し
ての堆積など）によって受容体上に予めパターン化された他の層または材料の上に、また
は部分的に上に重ね合せて別個のドナーシートからの材料を直接に転写することができる
。２つ以上のドナーシートのいろいろな他の組合せを用いて素子を形成することができ、
各ドナーシートが、素子の１つ以上の部分を形成する。フォトリソグラフィ方法、インク
ジェット方法、および様々な他の印刷またはマスクベースのプロセスなど、従来から使用
されているかまたは新たに開発されたかに関わらず、何れかの適した方法によって全部ま
たは部分的に、これらの素子の他の部分、または他の素子を受容体上に形成することがで
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きることは理解されよう。
【００８１】
　図２を参照して、ドナーシート２００の様々な層についてここで説明する。
【００８２】
　ドナー基材２１０は、ポリマーフィルムであってもよい。ポリマーフィルムの適したタ
イプの１つはポリエステルフィルム、例えば、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）ま
たはポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ）フィルムである。しかしながら、特定の適用に
応じて、特定の波長の高い光透過性などの十分な光学的性質、または十分な機械的および
熱安定性の性質を有する他のフィルムを用いることができる。ドナー基材は、少なくとも
いくつかの場合、均一な塗布をその上に形成することができるように平らである。ドナー
基材はまた、典型的には、ドナーの１つ以上の層の加熱にもかかわらず安定したままであ
る材料から選択される。しかしながら、下に記載したように、基板とＬＴＨＣ層との間に
下層を介在させ、画像形成の間にＬＴＨＣ層に発生した熱から絶縁することができる。ド
ナー基材の代表的の厚さは、０．０２５～０．１５ｍｍ、好ましくは０．０５～０．１ｍ
ｍの範囲であるが、より厚いかまたはより薄いドナー基材を用いてもよい。
【００８３】
　ドナー基材および任意の隣接した下層を形成するために用いた材料は、ドナー基材と下
層との間の接着性を改善し、基材と下層との間の熱輸送を制御し、ＬＴＨＣ層への画像形
成輻射線の輸送を制御し、画像形成の欠陥を低減するように選択することができる。任意
の下塗層を用いて、基材上に後続の層を塗布する間に均一性を増大させ、又、ドナー基材
と隣接した層との間の結合強さを増大させることができる。
【００８４】
　任意の下層２１２を、ドナー基材とＬＴＨＣ層との間に塗布または他の仕方で配置し、
例えば、画像形成の間に基材とＬＴＨＣ層との間の熱流を制御するか、または貯蔵、取扱
、ドナーの加工、または画像形成のためにドナー要素に機械的安定度を提供することがで
きる。適した下層および下層の提供方法の例は、本願と同一の譲受人に譲渡された米国特
許出願第０９／７４３，１１４号に開示されている。
【００８５】
　下層は、ドナー要素に所望の機械的または熱的性質を与える材料を含むことができる。
例えば、下層は、比熱と密度との小さい積（例えば、比熱×密度）またはドナー基材に対
して低い熱伝導率を示す材料を含むことができる。かかる下層を用いて、転写層への熱流
を増大させ、ドナーの画像形成感度を改善することができる。
【００８６】
　又、下層は、それらの機械的特性のためのまたは基材とＬＴＨＣとの間の接着性のため
の材料を含んでいてもよい。基材とＬＴＨＣ層との間の接着性を改善する下層を用いるこ
とにより、転写された画像の変形をより少なくすることができる。例として、ある場合に
は、例えば使用しなければドナー媒体の画像形成の間に起こる可能性があるＬＴＨＣ層の
離層または分離を低減または除く下層を用いることができる。これは、転写層の転写され
た部分によって示される物理的な変形の量を低減させることができる。他の場合、画像形
成の間に層間の少なくともある程度の分離を促進する下層を使用し、断熱機能を提供する
ことができる、画像形成の間に層間の空隙を作り出すことが望ましい場合がある。画像形
成の間の分離はまた、画像形成の間にＬＴＨＣ層を加熱することによって発生する場合が
あるガスを放出する溝を提供することができる。かかる溝を提供することで、画像形成欠
陥を低減できる場合がある。
【００８７】
　下層は、画像形成波長において本質的に透明であってもよく、または、又、画像形成輻
射線を少なくとも部分的に吸収または反射してもよい。下層による画像形成輻射線の減衰
または反射を利用して、画像形成の間に熱発生を制御することができる。
【００８８】
　再び図２に戻ると、本発明のドナーシートは、照射エネルギーをドナーシートに結合す
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るためにＬＴＨＣ層２１４を備えることができる。ＬＴＨＣ層は好ましくは、入射放射（
例えば、レーザ光）を吸収して、入射放射の少なくとも一部分を熱に変換してドナーシー
トから受像体に転写層を転写することができる輻射線吸収材を備える。
【００８９】
　概して、ＬＴＨＣ層の輻射線吸収材は、電磁スペクトルの赤外線、可視光、または紫外
線領域の光を吸収し、吸収された輻射線を熱に変換する。輻射線吸収材は典型的には、選
択された画像形成輻射線を高度に吸収し、約０．２～３以上の範囲の画像形成輻射線の波
長の光学濃度を有するＬＴＨＣ層を提供する。層の光学濃度は、層を通して透過された光
の強さの、層上に入射した光の強さに対する比の対数（底１０）の絶対値である。
【００９０】
　輻射線吸収材材料を、ＬＴＨＣ層の全体にわたって均一に配置することができ、または
不均一に分散させることができる。例えば、本願と同一の譲受人に譲渡された米国特許出
願第０９／４７４，００２号に記載されているように、不均一なＬＴＨＣ層を用いて、ド
ナー要素の温度プロフィルを制御することができる。これは、改善された転写性質（例え
ば、所期の転写パターンと実際の転写パターンとの間の、より良好な忠実度）を有するド
ナーシートをもたらすことができる。
【００９１】
　適した輻射線吸収材料には、例えば、染料（例えば、可視染料、紫外線染料、赤外線染
料、螢光染料、および放射線偏光染料）、顔料、金属、金属化合物、金属フィルム、およ
び他の適した吸収材料などが挙げられる。適した輻射線吸収材の例には、カーボンブラッ
ク、金属酸化物、および金属硫化物などがある。適したＬＴＨＣ層の１つの例には、カー
ボンブラックなどの顔料、有機ポリマーなどのバインダーを挙げることができる。別の適
したＬＴＨＣ層が、薄フィルムとして形成された金属または金属／金属酸化物、黒色アル
ミニウム（すなわち、黒い視覚的外観を有する部分酸化アルミニウム）を含む。金属およ
び金属化合物フィルムが、例えば、スパッタリングおよび蒸着などの技術によって形成さ
れてもよい。微粒子塗布が、バインダーおよび何れかの適した乾式または湿式塗布技術を
用いて形成されてもよい。ＬＴＨＣ層はまた、類似したまたは異なった材料を含む２つ以
上のＬＴＨＣ層を組み合わせることによって形成することができる。例えば、ＬＴＨＣ層
が、バインダーに配置されたカーボンブラックを含む塗布の上に黒色アルミニウムの薄い
層を蒸着することによって形成されてもよい。
【００９２】
　ＬＴＨＣ層中で輻射線吸収材として使用するのに適した染料が微粒子の形で存在しても
よく、バインダー材料中に溶解されるか、またはバインダー材料中に少なくとも部分的に
分散されてもよい。分散された微粒子輻射線吸収材が用いられるとき、粒度は、少なくと
もいくつかの場合には、約１０μｍ以下であってもよく、約１μｍ以下であってもよい。
適した染料には、スペクトルのＩＲ領域を吸収する染料、がある。特定の染料が、特定の
バインダーまたは塗布溶剤への溶解度および相溶性、並びに吸収の波長範囲などの因子に
基づいて選択されてもよい。
【００９３】
　顔料材料もまた、輻射線吸収材としてＬＴＨＣ層中で用いられてもよい。適した顔料の
例には、カーボンブラックおよび黒鉛、並びにフタロシアニン、ニッケルジチオレン、お
よび米国特許第５，１６６，０２４号および同第５，３５１，６１７号に記載された他の
顔料がある。更に、ピラゾロンイエロー、ジアニシジンレッド、およびニッケルアゾイエ
ローの銅またはクロム錯体ベースの黒色アゾ顔料が有用である場合がある。例えば、アル
ミニウム、ビスマス、スズ、インジウム、亜鉛、チタン、クロム、モリブデン、タングス
テン、コバルト、イリジウム、ニッケル、パラジウム、白金、銅、銀、金、ジルコニウム
、鉄、鉛、およびテルル等の金属酸化物および硫化物などの無機顔料もまた、用いること
ができる。金属ホウ化物、炭化物、窒化物、炭窒化物、青銅構造化酸化物、および構造上
青銅系（例えば、ＷＯ2.9）の酸化物もまた、用いてもよい。
【００９４】
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　米国特許第４，２５２，６７１号に記載されているように粒子の形においてか、または
米国特許第５，２５６，５０６号に記載されているようにフィルムとして、金属輻射線吸
収材を用いてもよい。適した金属には、例えば、アルミニウム、ビスマス、スズ、インジ
ウム、テルルおよび亜鉛などがある。
【００９５】
　ＬＴＨＣ層に用いるのに適したバインダーには、例えば、フェノール樹脂（例えば、ノ
ボラックおよびレゾール樹脂）、ポリビニルブチラール樹脂、ポリ酢酸ビニル、ポリビニ
ルアセタール、ポリ塩化ビニリデン、ポリアクリレート、セルロースエーテルおよびエス
テル、ニトロセルロース、およびポリカーボネートなどのフィルム形成ポリマーがある。
適したバインダーには、重合または架橋した、または重合または架橋可能であるモノマー
、オリゴマー、またはポリマーを含めてもよい。光開始剤などの添加剤もまた、ＬＴＨＣ
バインダーの架橋を容易にするために含んでいてもよい。いくつかの実施態様において、
バインダーは主に、任意のポリマーと架橋可能なモノマーまたはオリゴマーの塗布を用い
て形成される。
【００９６】
　熱可塑性樹脂（例えば、ポリマー）を含むことにより、少なくともいくつかの場合、Ｌ
ＴＨＣ層の性能（例えば、転写性質または塗布性）を改善することができる。熱可塑性樹
脂が、ドナー基材へのＬＴＨＣ層の接着性を改善する場合があると考えられる。１つの実
施態様において、バインダーは、２５～５０重量％（重量パーセントを計算するとき、溶
剤を除外する）の熱可塑性樹脂、好ましくは、３０～４５重量％の熱可塑性樹脂を含むが
、熱可塑性樹脂の、より低量（例えば、１～１５重量％）を用いてもよい。熱可塑性樹脂
は典型的には、バインダーの他の材料と相溶性（すなわち、一相の結合を形成する）であ
るように選択される。少なくともいくつかの実施態様において、９～１３（ｃａｌ／ｃｍ
3）1/2、好ましくは、９．５～１２（ｃａｌ／ｃｍ3）1/2の範囲の溶解パラメーターを有
する熱可塑性樹脂がバインダーのために選択される。適した熱可塑性樹脂の例には、ポリ
アクリル、スチレン－アクリルポリマーおよび樹脂、ポリビニルブチラールなどがある。
【００９７】
　界面活性剤および分散剤などの従来の塗布助剤を添加して、塗布プロセスを容易にする
ことができる。ＬＴＨＣ層を、本技術分野に周知のいろいろな塗布方法を用いてドナー基
材に塗布することができる。ポリマーまたは有機ＬＴＨＣ層を、少なくともいくつかの場
合、０．０５μｍ～２０μｍの厚さまで、好ましくは、０．５μｍ～１０μｍ、より好ま
しくは１μｍ～７μｍの厚さまで塗布することができる。無機ＬＴＨＣ層を、少なくとも
いくつかの場合、０．０００５～１０μｍの範囲の厚さまで、好ましくは、０．００１～
１μｍの範囲の厚さまで塗布することができる。
【００９８】
　再び図２に戻ると、任意の中間層２１６を、ＬＴＨＣ層２１４と転写層２１８との間に
配置してもよい。中間層を用いて、例えば、転写層の転写された部分の損傷および汚染を
最小にすることができ、又、転写層の転写された部分の変形を低減させる場合がある。中
間層はまた、ドナーシートの残部への転写層の接着性に影響を与える場合がある。典型的
には、中間層は高い耐熱性を有する。好ましくは、中間層は、特に、転写された画像を非
機能的にする程度にまで、画像形成条件下で変形または化学分解しない。中間層は典型的
には、転写プロセスの間、ＬＴＨＣ層に接触したままであり、実質的に転写層を転写され
ない。
【００９９】
　適した中間層には、例えば、ポリマーフィルム、金属層（例えば、蒸着金属層）、無機
層（例えば、ゾル－ゲル堆積層および蒸着無機酸化物（例えば、シリカ、チタニア、およ
び他の金属酸化物））、および有機／無機複合層などがある。中間層材料として適した有
機材料には、熱硬化性および熱可塑性材料の両方がある。適した熱硬化性材料には、架橋
したまたは架橋可能なポリアクリレート、ポリメタクリレート、ポリエステル、エポキシ
、およびポリウレタンなどがあるがそれらに限定されない熱、輻射線、または化学処理に
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よって架橋することができる樹脂がある。熱硬化性材料を、例えば、熱可塑性樹脂前駆物
質としてＬＴＨＣ層上に塗布し、引き続いて架橋して架橋中間層を形成してもよい。
【０１００】
　適した熱可塑性材料には、例えば、ポリアクリレート、ポリメタクリレート、ポリスチ
レン、ポリウレタン、ポリスルホン、ポリエステル、およびポリイミドなどがある。これ
らの熱可塑性有機材料を、従来の塗布技術（例えば、溶剤塗布、噴霧塗布、または押出し
塗布）によって適用してもよい。典型的には、中間層に使用するのに適した熱可塑性材料
のガラス転移温度（Ｔg）は、２５℃以上、好ましくは５０℃以上である。いくつかの実
施態様において、中間層は、画像形成の間に転写層で達した何れの温度より高いＴgを有
する熱可塑性材料を含む。中間層は、画像形成輻射線の波長において透過性、吸収性、反
射性であるか、またはそれらの特定の組合せのどちらであってもよい。
【０１０１】
　中間層材料として適した無機材料には、画像形成光の波長において高度に透過性または
反射性である材料を含めて、例えば、金属、金属酸化物、金属硫化物、および無機炭素塗
布がある。これらの材料を、従来の技術（例えば、真空スパッタリング、真空蒸着、また
はプラズマジェット堆積）によって光－熱変換層に適用してもよい。
【０１０２】
　中間層は、多くの利点を提供する場合がある。中間層は、光－熱変換層からの材料の転
写に対してのバリアである場合がある。それはまた、熱的に不安定な材料を転写すること
ができるように、転写層において達する温度を変えることができる。例えば、中間層が熱
拡散体として作用し、ＬＴＨＣ層で達成した温度に対して中間層と転写層との間の境界面
の温度を制御することができる。これは、転写層の質（すなわち、表面の粗さ、エッジの
粗さ、など）を改善することができる。中間層の存在はまた、転写された材料の改善され
た塑性復原をもたらす場合がある。
【０１０３】
　中間層は、例えば、光開始剤、界面活性剤、顔料、可塑剤、および塗布助剤などの添加
剤を含んでいてもよい。中間層の厚さは、例えば、中間層の材料、ＬＴＨＣ層の材料およ
び性質、転写層の材料および性質、画像形成輻射線の波長、および画像形成輻射線にドナ
ーシートを露光する時間などの因子に依存する場合がある。ポリマー中間層については、
中間層の厚さは典型的には、０．０５μｍ～１０μｍの範囲である。無機中間層（例えば
、金属または金属化合物中間層）については、中間層の厚さは典型的には、０．００５μ
ｍ～１０μｍの範囲である。
【０１０４】
　再び図２に戻ると、熱転写層２１８がドナーシート２００に含まれる。転写層２１８は
単独で、または他の材料と組み合わせて、１つ以上の層に配置された、何れかの適した材
料を含むことができる。ドナー要素が直接加熱を行われるかまたは光－熱変換材料によっ
て吸収されて熱に変換され得る画像形成輻射線に露光されるとき、転写層２１８を、何れ
かの適した転写機構によって一体としてまたは部分において選択的に転写することができ
る。
【０１０５】
　本発明は、転写層の部分として非晶質母材を形成する重合性非晶質母材形成材料に配置
された発光性、電荷輸送性、電荷ブロッキング性、または半導電材料を含む転写層を考察
する。本発明は、発光材料としてＬＥＰまたは他の発光分子を含む転写層を考察する。転
写層を提供する一つの方法は、発光材料および重合性非晶質母材形成材料をドナー上に溶
液塗布して発光材料を含む非晶質母材を形成することによる。この方法において、発光材
料および重合性非晶質母材形成材料を、適した相溶性の溶剤を添加することによって可溶
化し、スピン塗布、グラビア塗布、マイヤーロッド塗布、ナイフ塗布などによってドナー
シート上に塗布することができる。選択された溶剤は好ましくは、ドナーシート中に既に
存在している層と有害に相互作用（例えば、膨張または溶解）しない。次に、塗布を任意
にアニールすることができ、溶剤を蒸発させて非晶質母材を含む転写層を残す。
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【０１０６】
　次いで、転写層を、ドナー要素から、隣接して配置された受容基材に選択的に熱転写す
ることができる。多層構造体が単一ドナーシートを用いて転写されるように、必要ならば
、１つより多い転写層が存在してもよい。付加的な転写層が、重合性非晶質母材形成材料
または何か他の材料を含むことができる。受像基板［ＭＢＷ１］は、ガラス、透明フィル
ム、反射フィルム、金属、半導体、およびプラスチックなどであるがそれらに限定されな
い特定の適用に適した何れの品目であってもよい。例えば、受容基材は、表示の適用に適
した何れのタイプの基材または表示要素であってもよい。液晶表示または発光型表示など
の表示に使用するのに適した受像基材には、可視光線に本質的に透過性である硬質または
可撓性の基材がある。適した硬質の受容体の例には、インジウムスズ酸化物で塗布または
パターン化されるかまたは低温ポリ－シリコン（ＬＴＰＳ）または有機トランジスタを含
めて他のトランジスタ構造体で回路化されるガラスおよび硬質のプラスチックがある。
【０１０７】
　適した可撓性基材には、本質的に透明且つ透過性のポリマーフィルム、反射フィルム、
半透過フィルム、偏光フィルム、多層光学フィルムなどがある。可撓性基材はまた、電極
材料またはトランジスタで塗布またはパターン化されることができ、例えば、トランジス
タアレイが仮キャリア基板上に形成された後に可撓性基材上に直接形成されるかまたは可
撓性基材に転写される。適したポリマー基材には、ポリエステルベース（例えば、ポリエ
チレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート）、ポリカーボネート樹脂、ポリオレ
フィン樹脂、ポリビニル樹脂（例えば、ポリ塩化ビニル、ポリ塩化ビニリデン、ポリビニ
ルアセタールなど）、セルロースエステルベース（例えば、三酢酸セルロース、酢酸セル
ロース）、および支持体として用いられる他の従来のポリマーフィルムがある。プラスチ
ック基材上にＯＥＬを作製するために、バリアフィルムまたは塗布をプラスチック基材の
一方または両方の表面の上に備えて望ましくないレベルの水、酸素等に暴露することから
有機発光素子およびそれらの電極を保護することが、しばしば望ましい。
【０１０８】
　受像基材を、電極、トランジスタ、コンデンサー、絶縁リブ、スペーサ、カラーフィル
ター、黒色母材、正孔輸送層、電子輸送層の他、電子表示に有用な他の要素または他の素
子の何れかの１つ以上で予備パターン化することができる。
【０１０９】
　本発明は、偏光発光ＯＥＬ表示および素子を考察する。１つの実施態様において、発光
する、および異なった色を有する光を放射することができる隣接した素子を有するＯＥＬ
表示を作製することができる。例えば、図３は、基材３２０上に配置された複数のＯＥＬ
素子３１０を備えるＯＥＬ表示３００を示す。異なった光の色を放射する隣接した素子３
１０を作製することができる。
【０１１０】
　素子３１０間に示した分離は、説明に役立てるだけのものである。隣接した素子は、表
示基材上に１つより多い方向で、分離、接触、重複させる等、またはこれらの異なった組
合せであってもよい。例えば、平行なストライプの透明導電性アノードのパターンを基材
上に形成した後、正孔輸送材料のストライプのパターンおよび赤、緑、および青の発光Ｌ
ＥＰ層のストライプの反復パターンを形成し、その後、アノードストライプに垂直に方向
付けしたカソードのストライプのパターンを形成することができる。かかる構造体は、受
光型マトリクス表示の形成に適している場合がある。他の実施態様において、透明導電性
アノードパッドを、基材上に２次元のパターンとして設けることができ、発光型マトリク
ス表示の作製に適しているような、１つ以上のトランジスタ、コンデンサーなどの電子回
路のアドレスと結合することができる。次に、発光層などの他の層を、単一層として塗布
または堆積することができ、またはアノードもしくは電子素子の上にパターン化すること
ができる（例えば、平行なストライプ、アノードと等しい２次元のパターンなど）。他の
何れかの適した構造体もまた、本発明によって考察される。
【０１１１】
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　１つの実施態様において、表示３００は多色表示であってもよい。それ故に、発光素子
と視認者との間に任意の偏光子３３０を配置し、表示のコントラストを増強することが望
ましい場合がある。典型的な実施態様において、素子３１０の各々が発光する。図３に示
した一般的な構造体に包含される多くの表示および素子構造体がある。それらの構造体の
いくつかを、以下の通り考察する。
【０１１２】
　ＯＥＬバックライトは、発光層を備えることができる。構造体には、無塗布または回路
付き基板、アノード、カソード、正孔輸送層、電子輸送層、正孔注入層、電子注入層、発
光層、色変化層、およびＯＥＬ素子に適した他の層および材料を挙げることができる。又
、構造体には、偏光子、拡散体、光ガイド、レンズ、光制御フィルム、輝度増強フィルム
などを挙げることができる。適用には、例えば、発光材料がサーマルスタンプ転写、積層
転写、抵抗ヘッド感熱印刷などによって提供される場合、白色または単一色大面積単一ピ
クセルランプ、レーザによる熱転写によってパターン化された多数の近接して隔置された
発光層を有する白色または単一色大面積単一電極対ランプ、およびチューナブルカラー多
数電極大面積ランプ、などがある。
【０１１３】
　低解像度ＯＥＬ表示は、発光層を含むことができる。構造体には、無塗布または回路付
き基板、アノード、カソード、正孔輸送層、電子輸送層、正孔注入層、電子注入層、発光
層、色変化層、およびＯＥＬ素子に適した他の層および材料を挙げることができる。又、
構造体には、偏光子、拡散体、光ガイド、レンズ、光制御フィルム、輝度増強フィルムな
どを挙げることができる。適用には、グラフィックインジケータランプ（例えば、アイコ
ン）、セグメント化英数字表示（例えば、電気器具の時刻表示器）、小型白黒受光型また
は発光型マトリクス表示、集積表示の一部として小型白黒受光型または発光型マトリクス
表示とグラフィックインジケータランプの両方（例えば、携帯電話の表示）、使用される
屋外表示に適している場合があるような、大面積ピクセル表示タイル（例えば、各々、比
較的小数のピクセルを有する複数のモジュール、またはタイル）、および安全表示の適用
などがある。
【０１１４】
　高解像度ＯＥＬ表示は、発光層を備えることができる。構造体には、無塗布または回路
付き基板、アノード、カソード、正孔輸送層、電子輸送層、正孔注入層、電子注入層、発
光層、色変化層、およびＯＥＬ素子に適した他の層および材料を挙げることができる。又
、構造体には、偏光子、拡散体、光ガイド、レンズ、光制御フィルム、輝度増強フィルム
などを挙げることができる。適用には、発光型または受光型マトリクスマルチカラーまた
はフルカラー表示、発光型または受光型マトリクスマルチカラーまたはフルカラー表示と
セグメント化またはグラフィックインジケータランプの両方（例えば、同じ基板上にレー
ザによる高解像度素子の転写とアイコンのサーマルホットスタンプ）、および安全表示の
適用がある。
【実施例】
【０１１５】
実施例１：１－（７－メトキシ－フルオレン－２－イル）－エタノンの合成
【化１５】
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　カジガエシ（Ｋａｊｉｇａｅｓｈｉ）ら著Ｂｕｌｌ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．Ｊｐｎ．，５
２，３５６９～３５７２（１９７９年）またはグレイ（Ｇｒａｙ）ら著、Ｊ．Ｃｈｅｍ 
Ｓｏｃ．，１９５５；２６８６～２６８８により、フルオレン－２－イルメチルエーテル
を塩化アセチル／ＡｌＣｌ3でアシル化することによって１－（７－メトキシ－フルオレ
ン－２－イル）－エタノンを調製する。
【０１１６】
実施例２：１－（７－ブロモ－９Ｈ－フルオレン－２－イル）－エタノンの合成
【化１６】

　ツノ（Ｔｓｕｎｏ）ら著、Ｂｕｌｌ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．Ｊｐｎ．，５１，６０１～６
０７（１９７８年）により、２－ブロモフルオレン（ウィスコンシン州、ミルウォーキー
のアルドリッチケミカルカンパニー（Ａｌｄｒｉｃｈ Ｃｈｅｍｉｃａｌ Ｃｏｍｐａｎｙ
（Ｍｉｌｗａｕｋｅｅ，ＷＩ））製）と無水酢酸／ＡｌＣｌ3／ニトロベンゼンとの反応
によって１－（７－ブロモ－９Ｈ－フルオレン－２－イル）－エタノンを調製する。
【０１１７】
実施例３：１－（７－ブロモ－９，９－ジプロピル－９Ｈ－フルオレン－２－イル）－エ
タノンの合成
【化１７】

　ベンジルトリエチルアンモニウムクロリド（３．１９ｇ、１４ｍｍｏｌｅ、０．０７７
ｅｑ）および１－（７－ブロモ－９Ｈ－フルオレン－２－イル）－エタノン（５２．２６
ｇ、１８２ｍｍｏｌｅ、１ｅｑ）を１７８ｍＬのＤＭＳＯ中で懸濁した。５０％ＮａＯＨ
水溶液（８０ｍＬ）を添加する。次に、１－ブロモプロパン（５９．８８ｇ、４３７ｍｍ
ｏｌｅ、２．４ｅｑ）を少しずつ添加する。反応物を２時間、室温で撹拌してから止め、
次いで、水性層をエーテルで抽出する。混合エーテル層を５回、水で洗浄し、Ｎａ2ＳＯ4

で乾燥させる。次に、有機層を濾過し、蒸発させて乾燥させ、残留物をシリカゲルカラム
でフラッシュクロマトグラフを実施し、１－（７－ブロモ－９，９－ジプロピル－９Ｈ－
フルオレン－２－イル）－エタノンを生じた。
【０１１８】
実施例４：トリブロミド（Ａ）の合成
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【化１８】

　１５０ｍＬのｐ－シメンに溶かした実施例３の１－（７－ブロモ－９，９－ジプロピル
－９Ｈ－フルオレン－２－イル）－エタノン（２０ｇ、５３．９ｍｍｏｌ）とｐ－ＭｅＣ

6Ｈ4ＳＯ3Ｈ（０．３ｇ）との混合物をディーンスターク装置で３日間、還流し、化合物
Ａを生じる。
【０１１９】
実施例５：重合性非晶質母材形成化合物１の合成

【化１９】

　化合物１を、Ｗ．Ａ．ヌーゲント（Ｗ．Ａ．Ｎｕｇｅｎｔ）およびＲ．Ｊ．マッキンニ
ー（Ｒ．Ｊ．ＭｃｋＫｉｎｎｅｙ）著、Ｊ．Ｏｒｇ．Ｃｈｅｍ．，５０，５３７０～５３
７２（１９８５年）に記載されているのと同様な方法によって合成することができる。Ｔ
ＨＦに溶かした実施例４のトリブロミドＡ（１ｍｍｏｌｅ）および［ビス（ジメチルホス
フィノ）エタン］ニッケル（ＩＩ）クロリド（０．０３ｍｍｏｌ）を、室温でビニルマグ
ネシウムブロミド（３．７５ｍＬ、１．０ＭのＴＨＦ溶液）で処理した。反応が終了した
後、それを半飽和ＮＨ4Ｃｌ水溶液で急冷する。この混合物をエーテルで抽出し、エーテ
ルの蒸発後に生成物が得られる。
【０１２０】
実施例６：アジド部分を有する重合性非晶質母材形成化合物の合成
　アジド化合物を、Ｐ．Ａ．Ｓ．スミス（Ｐ．Ａ．Ｓ．Ｓｍｉｔｈ）、Ｃ．Ｄ．ロウ（Ｃ
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Ｃｈｅｍ．，３４，３４３０～３４３３（１９６９年）に記載されているのと同様な方法
によって合成することができる。エーテル（１０ｍＬ）中に溶かした実施例４のトリブロ
ミドＡ（１ｍｍｏｌｅ）をゆるやかな還流しながらマグネシウム削り屑（４ｍｍｏｌｅ）
で処理する。反応が終了した後、反応混合物を、０℃のエーテル１０ｍＬ中のｐ－トルエ
ンスルホニルアジド（３．３ｍｍｏｌｅ）の溶液に添加する。添加が終わると、ピロリン
酸四ナトリウム十水化物（３ｍｍｏｌ）水溶液を滴下する。一晩、撹拌した後に、エーテ
ル層を分離し、ＣａＣｌ2で乾燥させ、石油エーテルで酸化アルミニウムカラムで溶出す
ることによって精製する。石油エーテルの蒸発により、生成物を生じる。
【０１２１】
実施例７：アセチレン部分を有する重合性非晶質母材形成化合物の合成
【化２０】

　実施例４のトリブロミドＡ（３０．０ｍｍｏｌ）を、アルゴン雰囲気下、ジエチルアミ
ン（２５０ｍＬ）に溶解する。ヨウ化銅（５０ｍｇ）およびジクロロビス（トリフェニル
ホスフィン）パラジウム（ＩＩ）（４００ｍｇ）を、撹拌した溶液に添加する。トリメチ
ルシリルアセチレン（１０．６ｇ、１０８ｍｍｏｌ）を添加し、混合物を７時間、５０℃
で加熱した。冷却した後に、ジエチルアミンブロミドヒドロブロミドの形成された沈殿物
を濾過し、エーテルで洗浄する。次に、混合濾液を蒸発させて乾燥させ、次いで、残留物
をカラムでクロマトグラフを実施する（Ａｌ2Ｏ3担体、石油エーテル（ｌｉｇｈｔ ｐｅ
ｔｒｏｌｅｕｍ ｅｔｈｅｒ））。成果物を１時間、室温で撹拌しながらＭｅＯＨ－Ｎａ
ＯＨの混合物（５０ｍｌ、３０ｍｌ １Ｍ）で処理する。有機溶剤を蒸発させ、残留物を
エーテルで抽出し、乾燥させる（Ｎａ2ＳＯ4）。溶剤を除去することにより、生成物を生
じ、それを昇華によって精製することができる。
【０１２２】
実施例８：メトキシド部分を有する重合性非晶質母材形成化合物の合成
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【化２１】

　この化合物は、実施例４のトリブロミドＡの調製と同じ一般的な方法によって製造され
るが、ただし、１－（７－ブロモ－９，９－ジプロピル－９Ｈ－フルオレン－２－イル）
－エタノンの代わりに１－（７－メトキシ－フルオレン－２－イル）－エタノン（実施例
１）を用いる。
【０１２３】
実施例９：ヒドロキシル部分を有する重合性非晶質母材形成化合物の合成

【化２２】

ＢＢｒ3を用いて標準条件下で実施例８の化合物の脱メチル化によって、このアルコール
を合成することができる。
【０１２４】
　あるいは、Ｍ．Ｆ．ホーソーン（Ｍ．Ｆ．Ｈａｗｔｈｏｒｎｅ）、Ｊ．Ｏｒｇ．Ｃｈｅ
ｍ．，２２，１００１（１９５７年）に記載されているのと同様な方法によって、このア
ルコールを合成することができる。エーテル（１０ｍＬ）中に溶かした実施例４（１ｍｍ
ｏｌｅ）のトリブロミドＡを、ゆるやかな還流しながらマグネシウム削り屑（４ｍｍｏｌ
ｅ）で処理する。反応が終了した後、それを、－７８℃のエーテル１０ｍＬに溶かしたエ
ーテルホウ酸メチル（３．３ｍｍｏｌｅ）の溶液に添加する。添加が終わると、１０％の
ＨＣｌを３ｍＬ添加しながら反応物を室温に昇温させる。エーテル層を分離し、数回、水
で洗浄した。次に、１０％のＨ2Ｏ2を３ｍＬ、エーテル層に添加する。次いで、エーテル
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層を（ＮＨ4）2Ｆｅ（ＳＯ4）2水溶液で洗浄し、過剰なＨ2Ｏ2を除去する。エーテルの蒸
発により、生成物を生じる。
【０１２５】
実施例１０：ペルフルオロビニルエーテル部分を有する重合性非晶質母材形成化合物の合
成
　この化合物を、米国特許第５，０２３，３８０号の実施例１に記載されているのと同様
な方法によって実施例４のトリブロミドＡから合成することができる。
【０１２６】
実施例１１：メタクリレート部分を有する重合性非晶質母材形成化合物の合成
　代表的なアシル化条件下で実施例９のアルコールをメタクリロイルクロリドと反応させ
ることによって、このメタクリレート化合物を前記アルコールから合成することができる
。
【０１２７】
　本発明は、上に記載した特定の実施例に限定されると考えられるべきではなく、添付し
た請求項に明白に示される本発明のすべての態様にわたると理解されるべきである。本発
明が適用可能である様々な改良、同等の方法、並びに多数の構造は、本明細書を検討する
と、本発明の技術分野の当業者には容易に理解されよう。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４Ａ】

【図４Ｂ】
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